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ྲྀ動ಛੑධՁ装置
֤छࡐ料のྲྀ動ੑとಛੑのධՁに࠷ద

CFT-500EX/100EX 
ϑローςελー
थࢷͳͲͷྲྀಈੑࡐྉʹ͍ͭͯɺԹɾѹ ɾྗྲྀ Εͷ͔ؔΒྲྀಈಛੑΛධՁ͢ΔஔͰ͢ɻ�

一ཻ一ཻのѹॖಛੑධՁがՄ
ค体ɺཻͳͲͷࡐݪྉʹͳΔཻࢠͷڧɺϓロμΫトཻࢠͷڧॏཁͳੑͰ͢ɻ

ɹ様ಛɹ
ғൣྗݧࢼ

Թݧࢼ

छྨݧࢼ

C'5�500EX 0�4�03ʙ4��03MPa（5ʙ500LHG�cN2） 
C'5�100EX 0�0��ʙ���0�MPa（1ʙ100LHG�cN2） 

（室温ʴ20）̂ ʙ400ˆ
高温対Ԡܕは500ˆまで可能

定温試験、等ঢ温試験

● ෯広い圧力ൣғ
● ঢ温試験が可能
● 正確なྲྀಈ測定と࠶現性のよいデータ
● ෯広い試験温度ൣғ

MCT™シリーズ
ඍখѹॖ試ػݧ

圧 子 ม Ґ
測 定 ث

ෛ ՙ 装 置

形　　　式
ෛՙ方式
試験力ൣғ（NN）
試験力分解能
測定ൣғ（�N）
測定最খ୯Ґ（�N）

ి࣓力ෛՙ方式
MC5�510 MC5�511 MC5�210 MC5�211

���ʙ4�03 ���ʙ1�61
 5�N（4�NN以下の試験時） 2�N（1�NN以下の試験時）

0ʙ100 0ʙ10  0ʙ100 0ʙ10
0�001 0�0001  0�001 0�0001

度ධՁ装置ڧѹॖࢠཻ

● 微খな圧ॖมҐ測定
● ϫイυな試験力Ϩンジ
● 高精度・高҆定性測定
● 試料の大きさ測定ػ能が標準装උ
● 圧ॖ中試料のม形状ଶ؍が可能（オプション）
● 実環ڥ温度試験に対Ԡ（オプションシステム
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ຊจॻʹ͞ࡌهΕ͍ͯΔձ໊ࣾɺ໊ɺαーϏεϚーΫ͓Αͼϩΰɺ֤ ࣾのඪ͓ΑͼొඪͰ͢ɻ
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ౡͷคମ測定ثػ

● φϊཻܘࢠ測定装置ɹ4"-%���00OBOP
● Ϩーβճં式ཻܘࢠ測定装置ɹ4"-%���00
● Ϩーβճં式ཻܘࢠ測定装置ɹ4"-%��007 &3

測定装置ܘࢠཻ

● μイφϛックཻࢠը૾ղੳシステムɹJ4QFcU %*"�10

ɾཻܘࢠཻ ঢ়測定装置ܗࢠ

● ྲྀ動式ൺද໘積測定装置ɹϑϩーιーϒᶙ ��10
● 自動ൺද໘積測定装置ɹジΣϛχᶝ ���0シリーズ
● 自動ൺද໘積ʗࡉ測定装置ɹ
ɹɹɹɹɹɹɹɹτϥイスλーᶘ 1MVT �0�0シリーズ
● 多ݕ体ੑߴൺද໘積ʗࡉ測定装置ɹ�'MFY

ൺද໘積ɾࡉ測定装置

● 乾式自動密度計ɹアキュピックᶘ 1���シリーズ
乾式密度測定装置

● ϑϩーテスλーɹ$'5��00&9�100&9

ྲྀ動ಛੑධՁ装置

● ඍখѹॖ試ػݧɹ.$5シリーズ
度ධՁ装置ڧѹॖࢠཻ

ค体ʮࠞ߹͕Ͱ͖Δʯɺʮྲྀಈͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʯɺ

ʮ؆୯ʹׂͰ͖Δʯɺʮӷ体ؾ体தʹࢄͰ͖Δʯ

ͳͲ͙͢Εͨੑ࣭Λ͍ͬͯ·͢ɻ·ͨɺཻ ͦͷࢠ

体ੵʹ Β͘େ͖ͳද໘ੵΛ͓ͬͯΓɺ௨ৗͷӷ体

ݻ体ʹΈΒΕͳ͍ಛҟͳڍಈΛࣔ͠·͢ɻ

৽ૉࡐͷग़ݱࡐྉ設ܭͱ͍͏֓೦ͷಋೖͳͲɺ৽͠

͍ٕज़ͷൃలɺ͜ ΕΒค体ͷಛʹෛ͏ͱ͜Ζ͕͖

ΘΊͯେ͖͍ͱ͍͑·͢ɻͦ ͷͨΊɺค体ͷੑΛ測

Δͱ͍͏͜ͱɺޙࠓ·͢·͢ॏཁʹͳΔͱ༧͞Ε

͍ͯ·͢ɻ

͔͠͠ɺค体ཻࢠͷू߹体Ͱ͋Γɺݸʑͷཻࢠͷ

ੑ࣭ͱू߹体ͱͯ͠ͷੑ࣭Λ߹Θ͍ͤͬͯΔͨΊɺ

Ұ໘తͳ測定Ͱค体ͷਖ਼֬ͳ࢟ΛͱΒ͑Δ͜ͱ

Ͱ͖·ͤΜɻͦ ͷͨΊɺค体ͷଟ໘తͳ測定ͷඞཁੑͱ

ॏཁੑ͕͚͞Ε͖͍ͯͯ·͢ɻ

ౡɺද໘ಛੑ͔Βཻܘࢠू߹ಛੑ·Ͱɺค体

ͷੑΛ૯߹తɾଟ໘తʹͱΒ͑ΔͨΊɺଟ ͷ͘ค体

測定ثػΛఏ͠ڙɺค体ٕज़ൃలͷҰཌྷΛ୲͍ͬͯ·͢ɻ
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はɺค体ɺคɺཻܘࢠཻ 大きなཁҼの一ͭͰ͢ɻ࠷のಛੑをܾ定͢るࢠ
粉体、粉末、粒子は、さま͟まな分野のさま͟まな的・用途に用いられています。ͦ のままの状ଶで製ࡎ、৮ഔ、ఴ加物や
バインμーとして用いられる場合や、製のݪ料として用いられる場合もあります。いずれの場合でも、粒子ܘ分は用途
や的にٻめられる特性や、最ऴ製の性能・質に大きなӨڹを༩えます。したがって、ͦ の特性、性能、質を҆定さ
せたり、向上させるためには粒子ܘ分の測定は必要ෆ可ܽです。

ౡのཻܘࢠ測定装置は多様なͰɺ多࠼なతɾ用్に用͞Ε׆༂͠てい·͢ɻ

測定装置のχーズとシーズܘࢠཻ

ϚΠΫロϝートル
NN�N

ϛϦϝートル
ON

φϊϝートル
������������������������� �

ɿ�Nܘࢠཻ
����� ����� ���� ���� ��� ��� � � �� �� ��� ��� ���� ����

SALD-7500nano φϊཻࢠ対Ԡ

SALD-200V ER ܕٴී

測定装置  બ定ガイυܘࢠཻ

φノ粒子は、ͦ の大きさによって特別な性質をൃشすることがظされています。
コンタϛ分や、ूڽ体の存在を確実にѲしてスクリーχングを行い、ྑ する手法を࣋状ଶをҡࢄな分
開ൃするためには、粒子ܘ分測定装置はきわめてॏ要なπールです。

微粒子になるほど比表面積が大きくなり、溶解しやすくなります。また、注ࣹ液中の粒子の場合、粒子ܘにより
ໟ細݂や݂内นを௨過・ಁ 過し体内のどの部Ґまで౸ୡするかがܾ定されます。これはҩ薬のޮ果や
෭࡞用に大きくӨڹします。

分のࠩによってコントロールされてܘやޫのҧいは粒子࠼マスΧラ、アイシャυーなどの微妙な৭、ߚޱ
います。クリームのらかさやࢵ外ઢのःஅ特性なども粒子ܘ分にґ存してมԽします。

多くの৯のݪ料は粉体です。ύンやケーキ、ύスタなどの৯感や͟ࣃわりઉ͟わりなどは粒子ܘ分にґ
存します。さらにҿ料の質҆定のためにも粒子ܘ分のコントロールはॏ要です。ྫ えばڇೕやೕࢎҿ料
では、容ثの上部とఈ部で濃度やຯわいにࠩがग़ないように粒子ܘを細かくしています。

セラϛックスの特性、すなわちڧ度、密度、ߗ度、性、ਫや空気のಁ過性などは、ݪ料粒子の種類だけでな
く粒子ܘ分によっても大きくมԽします。

ύイプ、フィルム、シートのࡐݪ料として用いられる場合には、最ऴ製の、ڧ度やޫのಁ過性に粒子ܘ分
がӨڹします。

ԽֶԠ性は比表面積や細孔ߏのӨڹもडけますが、同一ࡐ料の場合、粒子ܘ分をมԽさせることに
よってԽֶԠ性をコントロールできます。

ి子ࡐ料に対しては用途やࡐ質のҧいによって粒子ܘ分のӨڹのしかたやఔ度も異なります。最ऴ製の
質の向上と҆定Խのために粒子ܘ分の質理がٻめられるようになってきています。

൫の҆定性やڧ度、ߏ物のڧ度、ܦมԽの度合いなどに、࠭やセメントの粒子ܘ分が大きくӨڹ
します。さらに、࠭による環ڥԚછの֦大نをѲするためにも粒子ܘ分の測定がॏ要です。

1� φノ粒子

2� ҩ薬

3� Խহ

4� ৯  

5� セラϛックス

6� 高分子

�� ৮  ഔ

�� ి子ࡐ料

�� ・

ओにサブマイクロからマイクロメートルの粒子を測りたい。
。૩粉末のまま測りたいס˒

ओにマイクロメートルからϛリメートルの粒子を測りたい。
ۚଐのような比ॏの大きい粒子を測りたい。
。૩粉末のまま測りたいס˒

コストがॏ要。
ओにマイクロメートルの粒子を測りたい。
࣪式測定で比ॏがখさい粒子を測れれば0,。

φノ粒子サンプル中のूڽ体やコンタϛの༗無を確認
するためのスクリーχングを行いたい｡
೪性の高いഔ体中のφノ粒子を測定したい。

SALD-2300
Ϩーザ回ં式粒子ܘ分測定装置

式Ϣχットの追加ס˒

SALD-200V ER
Ϩーザ回ં式粒子ܘ分測定装置

SALD-7500nano
φノ粒子ܘ分測定装置

マイクロメートルのૈ大粒子やूڽ体の粒子形状を確認したい｡
粒子のݸ数濃度を測定したい。 iSpect DIA-10
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μイφϛοΫ粒子ը૾ղੳγεςム
Dynamic Particle Image Analysis System

iSpect™ DIA-10

J4QFDU�%*"���ɺฐࣾͰഓͬͨค体測定ٕज़ͱը૾ղੳٕज़Λ༥߹͠ɺ

ʮཻࢠը૾ղੳʯɺʮཻܗࢠঢ়ղੳʯɺʮཻܘࢠ測定ʯɺʮ異ݕग़ʯɺʮݸ数ೱ度測定ʯ͕
ΔγεςϜͰ͢ɻ͑ߦ�ɺ�ճͷ測定Ͱ࠷

ύーςΟΫルΧンλーɺཻ 測定ஔɺཻܘࢠ ɻ͢·͠ݱΛ�Ͱ࣮ػঢ়測定ஔͳͲͷܗࢠ

ಛ� ˔ ग़γεςϜݕࢠཻͭ࣋৴པੑΛ͍ߴ
˔ ࡌ�ੑΛඪ४ػͰʹͳ͍·ࠓ
˔ �εςοϓͷ؆୯測定

ঢ়ܗࢠཻ 数ೱ度ݸ
iSpect ™

異ݕग़ཻܘࢠ

ը૾ࢠཻ

アϓリέーシϣϯ

ண৭ӷதͷラςοΫεཻࢠͷը૾ྫͰ͢ɻҰݟɺޫ Λಁա͠ͳ͍Α͏ʹ͑ݟΔண৭ӷʹ͓͍ͯɺηルͷޫ࿏͕�����N
ͷͨΊɺཻ ͷࣝผʹेͳޫྔ͕֬อͰ͖·͢ɻࢠ

ృྉதͷҟͷը૾ղੳʹΑΔධՁʵண৭ӷͷ測定Մੑͱ༹ࡎ用ྔͷઅݮ

ӷͷ৭

ը૾ࢠཻ

ਫ ࠇ シアϯ Ϛθϯλ イΤϩー

ը૾ࢠཻ

-*#ਖ਼ʹࡐۃ用͞ΕΔคΛ測定ͨ͠ྫΛࣔ͠·͢ɻඍྔͷૈେཻࢠͷݕग़͕ՄͰ͢ɻ-*#ਖ਼ࡐۃͷคࡐྉதʹ͋Δ
ૈେཻࢠΛݕग़͢Δ͜ͱͰɺϦνϜΠΦンిͷੑ໘͓Αͼ҆શੑͷԼΛ͙͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

-*#ਖ਼ࡐۃྉʹؚ·ΕΔૈେཻࢠͷݕग़

最大（�N）

ԁ
形

度

Λࢠঢ়ͷҟͳΔૈେཻܗ
۠ผͯ͠ݕग़͕Մ
ಉ࣌ʹը૾Ͱ֬ೝ͕Մ

ঢ়の異なるܗ
ૈ大ཻࢠ

ૈ大ཻࢠ

異ݕग़

˞1 面積ԁ૬ܘの性能保ূൣғ。 社ࢦ定の N*S5トϨーサブルな粒子ܘ標準試料の測定による。
˞2 社ࢦ定の標準試料の測定による。

߲ܘࢠཻ 面積ԁ૬ܘ、周ғ૬ܘ、最大、最大ਨ直、MaY 'eSeU %JaNeUeS（*S0）、MJn 'eSeU %JaNeUeS（*S0）、LenHUI（*S0）、
ਨ直フェϨーܘ、ਫฏフェϨーܘ、粒子周ғ、แབྷ周ғ、(enEeTJc LenHUI（*S0）、(enEeTJc 5IJcLneTT（*S0）

、ঢ়ղੳ߲　ԁ形度、ԁ形度（面積）、アスペクト比、ATpecU 3aUJo（*S0）、BoY 3aUJo（*S0）、ਫฏ外接ۣ形ॎԣ比ܗ
ConveYJUZ（*S0）、CoNpacUneTT（*S0）、3oVnEneTT（*S0）、EYUenU（*S0）、SUSaJHIUneTT（*S0）、ElonHaUJon（*S0）

ͦͷଞͷ߲　粒子面積、ฏًۉ度、最大ً度、最খً度、ً 度ภࠩ、Τッジޯ
ฏۉ、標準ภࠩ、CV 、メディアン（50� ）、モーυ、意ˋ
粒子ը૾、ώスグラム、スキャッタグラム、積算分、ස度 � 積算テーブル、意۠間粒子量
50 ʙ 1000 �L
シリンジポンプ、ྲྀ 量 0�1 NL � NJn

測定Ϣχット ： ෯ 223 NN ʷ 高さ 205 NN ʷ Ԟ行 465 NN � 10 LH
ポンプϢχット ： ෯   �� NN ʷ 高さ 150 NN ʷ Ԟ行 1�0 NN � 3 LH

AC100 V　100 VA　50�60 )[

ಈ的ը૾解ੳ法
5 ʙ 100 �N
CV ʽ 5 �

測定ํ๏
�˞測定ൣғܘࢠཻ

�˞ੑݱ࠶ೱݸ

౷ܭղੳ߲
ද߲ࣔ
ඞཁαンϓルྔ
ϙンϓ

測定߲

ӷࡐྉ

ੇ๏���࣭ྔ

ॴཁిݯ

測定Ϣχット ： PEE, थࢷ、フッ素थࢷ、ੴӳ、ύーフロΰム
ポンプϢχット ： フッ素थࢷ、ガラス

༷�

粒子径分布͚ͩͰΘ͔Βͳ͍粒子の͞·͟·ͳղੳΛ͜の�Ͱ
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Dynamic Particle Image Analysis System

iSpect™ DIA-10
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Ϩーβճં式ཻܘࢠ測定装置

SALD™-2300
粒子ܘ分は粉体ಠ特の物性であり、粉体のڍಈや性質をܾめるॏ要な物性の一つです。

SAL%�2300 は、ҩ薬、Խহ、৯、ҿ料、إ料・ృ料、セラϛックス、ి 子ࡐ料など
෯広い粒子ܘ分測定に対して多࠼なオプションと解ੳアプリケーションで対Ԡします。

さらにSAL% シリーズのスタンμーυػとして、
ैདྷのSAL%�2000�2000A�2000+�2100�2200とのデータのޓ性、

。Խしていますڧ能をػ性と解ੳ࡞続性をॏ視しながらૢܧ

Ϩーβճં式ཻܘࢠ測定とはʁ
粒子܈にϨーザޫを照ࣹし、ͦ こからൃせられる回 度分ύターンからڧཚޫのࢄં・
計算によって粒子ܘ分をٻめる方法です。
測定ൣғが広い・測定時間がい・࣪ 式測定もס式測定も可能などの༏れた特を࣋っており、
現在では粒子ܘ分測定装置のओྲྀとなっています。
測定ݪ理はP21をごཡ下さい。

ଟ࠼ͳΦϓγϣϯͱղੳアϓリέーγϣϯͰ෯͍粒子径分布ଌఆʹରԠ
*40�����४ڌのεタϯμーυػ

い൚用ੑߴ

ྫえばฏۉ粒子50ܘnNのポリスチϨンラテックス粒子から直2̼̼ܘのステンϨスボールまで1台の装置で測定できます。

測定ൣғは1�ONʙ��00� ʢ̼多ػサϯϓϥによる࣪式測定の場合ʣ

● 多ػ能サンプラのサンプル量は可ม、100NL、200NL、300NLから選択することができます
● 回分セルは12NL
● 高濃度サンプル測定システムでは、く΅みセルを選択することによって6�Lʙ150�Lの極少量に対Ԡ。

測定対象測定తによͬて異なる多様なサϯϓル ʢྔݒ液ྔʣに対ԠͰき·͢ɻ

෯い用్ɺతɺ測定対象とɺ多様な測定ڥɺ測定݅に合Θͤて多࠼なシステムを構成Ͱき·͢ɻ

ฏۉ粒子50ܘnNのポリスチϨンラテックス粒子 直2̼̼ܘのステンϨスボール
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খ容ྔ測定システム
・12NLのখ液量で測定が可能
・༗ػ溶ഔやࢎの使用も可能
・PC制御߱制かくはんߏػ載

ೱ度測定システムߴ
・ೋຕのガラス൘に試料をڬみ、最大20XU�ఔ

度の高濃度サンプルをرऍなしで測定可能

ඍখྔ測定システムۃ
・く΅み付きガラス൘の使用で6�Lʙ150�Lの極

微খ量サンプルの測定が可能

乾式測定システム
・粉末のまま測定する場合の標準ػ
を実現ࢄ力な分ڧҾとࣹの2ஈ֊でٵ・
・サンプルを容ثに入れるだけの؆୯ૢ࡞
・ϗッύにサンプルを入するだけのϫンショッ

トやϏーΧーから直接ٵҾするϋンυショット
も付ଐ（オプション）

࣪式測定システム
・液中分ࢄ測定の標準ػ。
・直2�5ܘNNまでの粒子の҆定した分ࢄを実現

する循環式サンプラ
・Ի分ثࢄも標準装උ

ଌఆ෦ʢ光ֶܥʣ��4"-%ä�����8JOH4"-%äⅡ
1$ηοτ

��ೱ度αϯϓルଌఆϢχοτߴ
4"-%�)$��4

αイΫϩϯࣹࣜסܕଌఆϢχοτ��
4"-%�%4�4

ଟػαϯϓϥ��
4"-%�.4��

ճ分ηル��
4"-%�#$��
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Ϩーβճં式ཻܘࢠ測定装置
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ྫえばฏۉ粒子50ܘnNのポリスチϨンラテックス粒子から直2̼̼ܘのステンϨスボールまで1台の装置で測定できます。

測定ൣғは1�ONʙ��00� ʢ̼多ػサϯϓϥによる࣪式測定の場合ʣ

● 多ػ能サンプラのサンプル量は可ม、100NL、200NL、300NLから選択することができます
● 回分セルは12NL
● 高濃度サンプル測定システムでは、く΅みセルを選択することによって6�Lʙ150�Lの極少量に対Ԡ。

測定対象測定తによͬて異なる多様なサϯϓル ʢྔݒ液ྔʣに対ԠͰき·͢ɻ

෯い用్ɺతɺ測定対象とɺ多様な測定ڥɺ測定݅に合Θͤて多࠼なシステムを構成Ͱき·͢ɻ

ฏۉ粒子50ܘnNのポリスチϨンラテックス粒子 直2̼̼ܘのステンϨスボール
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微খ量サンプルの測定が可能
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ωοτϫーΫγεςムͰの҆શɾ̓ ৺ͳデータཧΛ࣮ݱʂ

Ϩーβճંࣜ粒子径分布ଌఆஔ4"-%�����͕࠷৽のデータイϯςάリςΟʹରԠ͠·ͨ͠ɻ
ରԠͰ࣮の͋Δ-BC4PMVUJPOTγεςムʹ-BC4PMVUJPOT�4"-%Λଓͯ҆͠৺ɺ੍֬ن4&�3& ࣮ͳデータཧ͕ՄͰ͢ɻ4"-%のデータ
͚ͩͰͳ ɺ͘-$ɺ($ɺ67のデータҰׅཧ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

データイϯςάリςΟͱɺデータ͕ͯ͢ଗͬͯ
͍ͯܽଛෆ߹͕ͳ͍͜ͱΛอূ͢Δ͜ͱΛҙ
ຯ͠·͢ɻͭ ·Γデータͦのの͚ͩͰͳ ɺ͘ϝ
タデータʢ݅ઃఆデータղੳͳͲਓのख͕հ
Ͱఏ示͠ɺͦܗΔ͑ݟʹの݁ՌʣΛۀ࡞Δ͢ࡏ ͠
ͯデータͱڞʹরࠪ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕ·͢ɻ͜ Ε
Λ࣮͢ݱΔの͕ϨϙーτηοτͰ͢ɻ

ιϑτΣアʹ͢ࡏࢄΔૢ࡞ใʢਓのख͕հ͢ࡏΔૢ࡞ɾઃఆʣΛूΊͯɺ̍ ͭのϨϙーτʹ·ͱΊΔ
Ͱ͢ɻిػ 子ॻ੶ͱ同͡Α͏ͳ֮ײͰɺϖーδΛΊ Γ͘ͳ͕Β༰֬ೝ͕͑ߦΔͨΊɺ͜ Ε·ͰのΑ͏ʹ
ը໘タϒΛΓସ͑ͳ͕Βૢ࡞ɾઃఆの֬ೝΛ͏ߦඞཁ͕ແ ͳ͘Γ·͢ɻ

Ϩーβճંཻࣜܘࢠଌఆஔ4"-%�����༻

LabSolutions™ SALD

Ϩーβճંࣜ粒子径分布ଌఆஔ4"-%�����͕࠷৽のデータイϯςάリςΟʹରԠ͠·ͨ͠ɻϨーβճંࣜ粒子径分布ଌఆஔ4"-%�����͕࠷৽のデータイϯςάリςΟʹରԠ͠·ͨ͠ɻϨーβճંࣜ粒子径分布ଌఆஔ4"-%�����͕࠷৽のデータイϯςάリςΟʹରԠ͠·ͨ͠ɻ

շదなૢڥ࡞Λఏڙշదなૢڥ࡞Λఏڙ
˙�ҰͰωοτϫʔΫͷ
ஔՔಇঢ়گを֬ೝ

˙�分ੳ 1$Ҏ֎͔ΒͰ
σʔタӾཡՄ

˙�େͳྔͷσʔタૉૣ͘
ࡧݕ

管理ۀ࡞ͷޮԽ管理ۀ࡞ͷޮԽ
˙�σʔタ͚ͩͰͳ͘Ϣʔβʔ
ͳͲͷγεςムใ
αʔόʔͰҰׅཧ

˙�ϓϩδΣΫτຖにؔ࿈ใ
をཧ

安全・安心なデータ管理安全・安心なデータ管理
˙�σʔタϕʔεཧにΑΔ
ϛεͷࢭ

࿚ͳηΩϡリςΟݎ�˙

σʔタイϯςάリςΟとϨϙʔτηοτ

ౡ࡞ॴの-BC4PMVUJPOTϨϙーτηοτͱʁ

データϑΝイル

αϯϓルใ

ཤྺ࡞ૢ

分ੳϨϙーτ

データཤྺ
Ϩϙーτηοτ˞

分ੳ݅

1PJOU

IUUQT���XXX�BO�TIJNBE[V�DP�KQ�EBUB�OFU�
MBCTPMVUJPOT�SFQPSUTFU�IUN

ϥϘʹԠͯ͡�ͭのデータཧํ๏Λ४උ͠·ͨ͠ɻ
-BC4PMVUJPOTͰのωοτϫーΫཧ͕4"-%�����Ͱ͝༻͍͚ͨͩ·͢ɻ

ຊγεςムɺデータϕーεʹΑΔデータཧɺϢーβーཧΛ
�のアΫイδγϣϯίϯτϩーϥ1$Ͱ͍ߦɺ&3�&4ࢦͳͲのن
੍ʹରԠ͠·͢ɻ
ωοτϫーΫଓ͕ෆཁͰɺ�の1$Ͱεタϯυアϩϯʹݶఆͯ͠
ΊͰ͢ɻ͓͢͢ʹํ͍͍ͨߦରԠΛ੍ن4&�3&

˙�-BC4PMVUJPOT�4"-%
ɹɹɹɹɹɹɹɹʴ-BC4PMVUJPOT�.BOBHFS�%#
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹʢεタϯυΞϩϯγεςϜʣ

ຊγεςムɺ分ੳωοτϫーΫデータཧγεςム-BC4PMV�
UJPOT�$4ʹアΫイδγϣϯίϯτϩーϥͱ͠ ͯɺ-BC4PVUJPOT�4"-%
ΛՃͰ͖·͢ɻऔಘデータαーόー্ͰҰݩཧ͞Ε·͢ɻ
ར༻ऀ͕ଟ ɺ͘-$�($のデータͱҰॹʹαーόーཧͯ͠ɺ&3�&4
ΊͰ͢ɻ͓͢͢ʹํ͍͍ͨߦରԠΛ੍ن

˙�-BC4PMVUJPOT�4"-%
ɹɹɹɹɹɹɹɹʴ-BC4PMVUJPOT�.BOBHFS�$4
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹʢωοτϫーΫγεςϜʣ

৴པੑ͋Δ-BC4PMVUJPOTιϑτΣア

分ੳࣨثػ·ͨɺࣨډΫϥイアϯτ�1$ -BC4PMVUJPOT�αʔόʔ

アΫイδγϣϯίϯτϩʔϥ�1$

໊শ

データのཧํ๏ 1$のϩーΧルϑΥルμʹ
อଘͯ͠ཧ͠·͢ɻ -BC4PMVUJPOTのデータϕーεʹอଘͯ͠ཧ͠·͢ɻ

データϕーεのϑΝイルΛࢀর͠·͢ɻ

Ͱ͖·͢ɻ༺

Ͱ͖·͢ɻ༺

Ͱ͖·͢ɻ༺

データϕーε͝ͱʹ͍ߦ·͢ɻ

1$のϩーΧルϑΥルμの
ϑΝイルΛࢀর͠·͢ɻ

Ͱ͖·͢ɻ༺
ʢデータϕーεϩーΧル1$্ʣ

εタϯυアϩϯのΈ༻Ͱ͖·͢ɻ

Ͱ͖·͢ɻ༺
ʢデータϕーεαーόー্ʣ

ωοτϫーΫのΈ༻Ͱ͖·͢ɻ

ΤΫεϓϩーϥΛ༻ͯ͠ɺ
ϑΝイル͝ͱʹ͍ߦ·͢ɻ

Ͱ͖·ͤΜɻ༺

Ͱ͖·ͤΜɻ༺

Ͱ͖·ͤΜɻ༺

Ͱ͖·ͤΜɻ༺

εタϯυアϩϯのΈ༻Ͱ͖·͢ɻ

データのࢀরઌ

Ϣーβーཧ

άルーϓཧݶݖ

ϓϩδΣΫτཧ

εタϯυアϩϯ／
ωοτϫーΫ

データの
όοΫアοϓ

-BC4PMVUJPOT
データϕーε

-BC4PMVUJPOT�4"-%
ʴ�-BC4PMVUJPOT�.BOBHFS�%#

-BC4PMVUJPOT�4"-%
ʴ�-BC4PMVUJPOT�.BOBHFS�$4

ඪ४ιϑτΣア
8JOH4"-%�**

�8JOH4"-%�**ɺϑΝイルཧ൛ιϑτΣアͰ͢ɻ'%"����$'3�1BSU���ʹରԠ͓ͯ͠Γ·ͤΜɻ
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φϊཻܘࢠ測定装置

SALD-7500nano

φϊテクϊϩジーɺϥイϑサイΤϯスなͲɺ
ઌのٕज़։࠷ ɾൃ։ൃをྗڧにサϙーτ͠ ·͢

φノ粒子の実用Խにおいて最もॏ要な分ूڽ・ࢄ特性の評価を広ൣғかつリアルタイムで実現。

濃度φノ粒子やޫٵ収性の高いφノ粒子の粒子ܘ分を正確かつ高感度に測定したいというڧいχーズにԠえて開
ൃしました。φノྖҬにおいてैདྷの10 ഒの高感度を実現、1ppNະຬの濃度サンプルも測定可能。ࠓまではఘめ
ていた濃度φノ粒子の測定が可能になります。

バイオҩ薬に含まれるサブϏジブルྖҬのूڽ体評価に対Ԡした、バイオҩ薬ूڽ性評価システムもラインφッ
プ。

ସखஈͷͳ͍
ݱ測定Λ࣮ܘࢠφϊཻײߴ

SALD-7500nano

� ONʙ�00 �Nの෯いཻൣܘࢠғをΧόー
一͔ࢠཻ࣍Βूڽ体ɺίϯλϛ·Ͱを一の装置Ͱ測定
● 測定ൣғ� nNʙ�00 �Nの粒子のมԽを、୯一ޫݯ、୯一ޫֶ系および୯一の測定ݪ理で、切れなく࿈続的に測定できます。
● 一次粒子からूڽ体、コンタϛまでを一台の装置で測定できるので、分ࢄ݅などによるूڽ特性を෯広いൣғで確認できます。

φノ粒子の実用Խにおいて最もॏ要な分ࢄ・
特性の評価を広ൣғかつリアルタイムで実現ूڽ

1ඵִؒͰ࿈ଓ測定ɺリアルλイムͰのモχλリϯάՄ࠷
測定時間は最で1ඵ。1ඵ間ִでの࿈続測定やリアルタイムでのモχタリングが可能。これは、ޫ ग़ݕ広֯度－ݯえが必要ない୯一ޫの切りݯ
方式だからこͦ実現できるػ能です。
φノ粒子の分ڽ・ࢄ ・ू溶解などのԠプロセスを最1ඵ間ִで࿈続؍し、ͦ の結果を保存することができます。さらに、౷計処理、ࡾ次ݩ表ࣔ
などのػ能を使用して多֯的に分ੳ・評価することができます。

●

●

όイΦҩༀにお͚る4VC�WJTJCMF QBSUJcMFྖҬのूڽ体のཻܘࢠ測定に࠷ద

バイオҩ薬ूڽ性評価システムでは、0�1 �Nʙ10 �NのྖҬにお
いて粒子濃度（୯Ґ：�H�NL、またはݸ�NL）を定量的に評価すること
が可能です。

ᶃ 0�1 �Nʙ10 �Nのूڽ体のೱ度を定ྔධՁ
ᶄ গないサϯϓルྔͰ測定ʢ1�� �-ʙʣ
ᶅ リアルλイムͰ͠ूڽていくաఔを定ྔతにධՁʢ�0ඵִؒʙʣ
ᶆ Թௐػʢ�0ʙ��ˆɺΦϓシϣϯʣ
ᶇ '%" �1 $'3 1BSU ** 対ԠιϑτウΣアʢΦϓシϣϯʣ

Aggregates Sizer™
όΠΦҩༀੑूڽධՁγεςϜ

粒子径分布と光強度を
リアルタイムに更新

粒子径分布データ／光強度分布データの
同時リアルタイム表示
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Ϩーβճં式ཻܘࢠ測定装置

৭ಋ体Ϩーザ（6�0nN） ：ݯޫ ●
● SAL% シリーズのスタンμーυػです。ҩ薬、৯、ి 子ࡐ料など෯広い粒子ܘ分

測定に対Ԡします。ै དྷのSAL%�2000�2000A�2000+�2100� 2200とのデータ
のޓ性、ܧ続性をॏ視しながらૢ࡞性と解ੳػ能をڧԽしました。

● ࣹס ܕ式測定にも対Ԡ

SALD-2300 測定ൣғ：1�nNʙ2500�̼

φϊཻܘࢠ測定装置

৭ಋ体Ϩーザ（405nN）ࢵ੨ ：ݯޫ ●
● φノ粒子の分ूڽ・ࢄに関する時間的มԽを広いൣғで評価できます。
● %LS（ಈ的ޫࢄཚ法）に比べて以下のར点を༗しています。
　　● ̍ඵ間ִでのリアルタイム測定可能
　　● ೪性の高いഔ体やフィルムなどの固体中に分ࢄしたφノ粒子も測定可能
　　● 0�1ppNʙ20ˋの広い粒子濃度ൣғで測定可能
　　● 測定上限が�00�N（�00000nN）と広いので、ूڽ体やコンタϛ分
　　　を確認でき、φノ粒子サンプルのスクリーχングにもར用可能
● ࣪式測定ઐ用ػ

SALD-7500nano 測定ൣғ：�nNʙ�00�N

৭ಋ体Ϩーザ（6�0nN） ：ݯޫ ●
● 高性能、লスペース、価֨を実現したීܕٴの粒子ܘ分測定装置です。
● ৯・ҿ料・ҩ薬・Խহ・Τマルジョンなど比ֱ的比ॏのܰいサンプル（比ॏ

2 以下）にదしています。
● ࣪式測定ઐ用ػ

SALD-200V ER 測定ൣғ：250nNʙ350�̼

�ピークのཻܘࢠ正確にݕग़͢るߴղ
ૈい粒子からのࢄཚޫはޫ࣠ۙの֯度にू中し微খ֯度内でܹしくมಈしますが、微খ粒子からのࢄཚޫは中৺から高֯度ま
で؇ຫにมಈします。一方、ૈ い粒子からのࢄཚޫڧ度はඇৗにڧく、微খ粒子からのࢄཚޫڧ度は微ऑです。
SAL%��500nano�SAL%�2300で࠾用したWJnHセンサⅡでは、同৺ԁ状のݸ��のݕग़素子を中৺から周ลに向かって対数的にݕग़
面積が増加するように置し、粒子ܘとࢄཚޫの関係をޮ果的にར用することによって広い粒子ൣܘғにおける高分解能を実現し
ています。WJnHセンサⅡのほかଆ方1素子、後方5素子のセンサを࠾用しています。

ޫֶ系の҆定性を追ٻし、࠶現性のྑい測定を実現しました。測定装置の高い࠶現性を確保しているのでサンプルの微妙なมԽを
確実にଊえることができます。

ଞの手法に比べて、ඇৗに広い濃度ൣғ（0�1ppNʙ20ˋ）で測定が可能です。رऍをすることで粒子ܘ分がมԽしてしまうような
サンプルでも、ݪ液のまま、あるいは必要最限のرऍをするだけで測定が可能なため、より正確な測定を行うことができます。

5 ピークを࣋つ粒子ܘ分データ
複ࡶな分形ଶを࣋つ粒子ܘ分も確実に࠶現できます。
0��、2、5、25、100�̼の5種類をࠞ合した粒子の測定ྫ

ղߴ

同一サンプルを10回測定したデータのॏͶඳき N*S5(アメリΧཱࠃ標準ٕज़ڀݚॴ)トϨーサブルな粒子をඇৗに
高い࠶現性で測定できます。複数回測定したฏۉ粒子ܘの標準ภ
ࠩがほとんど̌になります。

ੑݱ࠶ߴ

数ppNの濃度でリポソームを測定した結果です。分ࢄ状ଶに
より、多くのूڽ体がることが確認できました。

ϋンυクリームをݪ液のまま（高濃度）で測定した場合とرऍして測
定した場合を比ֱしたものです。رऍによって分෯がڱくなるこ
とがわかります。

ɾߴ度ײߴ ೱ度

ӷͷ··Ͱ測定ݪ ऍͯ͠測定ر

ಛ  lߴղzɺlੑݱ࠶ߴzɺlײߴ度ɺlߴೱ度ɺlߴzɺlߴ৴པੑzɺlޮߴz 測定を࣮ݱ

測定装置 4"-%シリーズܘࢠཻ
測定装置 4"-%シリーズ一覧ܘࢠཻ

測定装置 4"-%シリーズܘࢠཻ
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೪性の高いഔ体やフィルムなどの固体中に分ࢄしたφノ粒子も測定可能

測定ൣғ：�nNʙ�00�N
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ౡค体測定ثػのϗームϖージ
ɻ͢·͠ڙ৽ใをイϯλーωッτを௨͡てλイムリーにఏ࠷
IUUQT���XXX�BO�TIJNBE[V�cP�KQ�QPXEFS�

製ใだけでなく、๛なアプリケーションใもհしています。
また、セϛφーʗߨशձやలࣔձのごҊ内もしております。
さらに、粉ത࢜のl粉z࠲ߨでは、様々な分野で׆用される「粉体測定の
ॏ要性」と֤種粉体測定の「測定ݪ理」や「測定上のཹ意点」などをわ
かりやすく解આしています。



Ϩーβճં式ཻܘࢠ測定装置

৭ಋ体Ϩーザ（6�0nN） ：ݯޫ ●
● SAL% シリーズのスタンμーυػです。ҩ薬、৯、ి 子ࡐ料など෯広い粒子ܘ分

測定に対Ԡします。ै དྷのSAL%�2000�2000A�2000+�2100� 2200とのデータ
のޓ性、ܧ続性をॏ視しながらૢ࡞性と解ੳػ能をڧԽしました。

● ࣹס ܕ式測定にも対Ԡ

SALD-2300 測定ൣғ：1�nNʙ2500�̼

φϊཻܘࢠ測定装置

৭ಋ体Ϩーザ（405nN）ࢵ੨ ：ݯޫ ●
● φノ粒子の分ूڽ・ࢄに関する時間的มԽを広いൣғで評価できます。
● %LS（ಈ的ޫࢄཚ法）に比べて以下のར点を༗しています。
　　● ̍ඵ間ִでのリアルタイム測定可能
　　● ೪性の高いഔ体やフィルムなどの固体中に分ࢄしたφノ粒子も測定可能
　　● 0�1ppNʙ20ˋの広い粒子濃度ൣғで測定可能
　　● 測定上限が�00�N（�00000nN）と広いので、ूڽ体やコンタϛ分
　　　を確認でき、φノ粒子サンプルのスクリーχングにもར用可能
● ࣪式測定ઐ用ػ

SALD-7500nano 測定ൣғ：�nNʙ�00�N

৭ಋ体Ϩーザ（6�0nN） ：ݯޫ ●
● 高性能、লスペース、価֨を実現したීܕٴの粒子ܘ分測定装置です。
● ৯・ҿ料・ҩ薬・Խহ・Τマルジョンなど比ֱ的比ॏのܰいサンプル（比ॏ

2 以下）にదしています。
● ࣪式測定ઐ用ػ

SALD-200V ER 測定ൣғ：250nNʙ350�̼

�ピークのཻܘࢠ正確にݕग़͢るߴղ
ૈい粒子からのࢄཚޫはޫ࣠ۙの֯度にू中し微খ֯度内でܹしくมಈしますが、微খ粒子からのࢄཚޫは中৺から高֯度ま
で؇ຫにมಈします。一方、ૈ い粒子からのࢄཚޫڧ度はඇৗにڧく、微খ粒子からのࢄཚޫڧ度は微ऑです。
SAL%��500nano�SAL%�2300で࠾用したWJnHセンサⅡでは、同৺ԁ状のݸ��のݕग़素子を中৺から周ลに向かって対数的にݕग़
面積が増加するように置し、粒子ܘとࢄཚޫの関係をޮ果的にར用することによって広い粒子ൣܘғにおける高分解能を実現し
ています。WJnHセンサⅡのほかଆ方1素子、後方5素子のセンサを࠾用しています。

ޫֶ系の҆定性を追ٻし、࠶現性のྑい測定を実現しました。測定装置の高い࠶現性を確保しているのでサンプルの微妙なมԽを
確実にଊえることができます。

ଞの手法に比べて、ඇৗに広い濃度ൣғ（0�1ppNʙ20ˋ）で測定が可能です。رऍをすることで粒子ܘ分がมԽしてしまうような
サンプルでも、ݪ液のまま、あるいは必要最限のرऍをするだけで測定が可能なため、より正確な測定を行うことができます。

5 ピークを࣋つ粒子ܘ分データ
複ࡶな分形ଶを࣋つ粒子ܘ分も確実に࠶現できます。
0��、2、5、25、100�̼の5種類をࠞ合した粒子の測定ྫ

ղߴ

同一サンプルを10回測定したデータのॏͶඳき N*S5(アメリΧཱࠃ標準ٕज़ڀݚॴ)トϨーサブルな粒子をඇৗに
高い࠶現性で測定できます。複数回測定したฏۉ粒子ܘの標準ภ
ࠩがほとんど̌になります。

ੑݱ࠶ߴ

数ppNの濃度でリポソームを測定した結果です。分ࢄ状ଶに
より、多くのूڽ体がることが確認できました。

ϋンυクリームをݪ液のまま（高濃度）で測定した場合とرऍして測
定した場合を比ֱしたものです。رऍによって分෯がڱくなるこ
とがわかります。

ɾߴ度ײߴ ೱ度

ӷͷ··Ͱ測定ݪ ऍͯ͠測定ر

ಛ  lߴղzɺlੑݱ࠶ߴzɺlײߴ度ɺlߴೱ度ɺlߴzɺlߴ৴པੑzɺlޮߴz 測定を࣮ݱ

測定装置 4"-%シリーズܘࢠཻ
測定装置 4"-%シリーズ一覧ܘࢠཻ

測定装置 4"-%シリーズܘࢠཻ

（�N）ܘࢠཻ

（�N）ܘࢠཻ

૬
ର
ཻ
ࢠ
ྔ

（�N）ܘࢠཻ

૬
ର
ཻ
ࢠ
（ྔ
ੵ
ࢉ
）

૬
ର
ཻ
ࢠ
（ྔ
ස

）

（�N）ܘࢠཻ

૬
ର
ཻ
ࢠ
（ྔ
ੵ
ࢉ
）

૬
ର
ཻ
ࢠ
（ྔ
ස

）

૬
ର
ཻ
ࢠ
（ྔ
ੵ
ࢉ
）

૬
ର
ཻ
ࢠ
（ྔ
ස

）

WJnHセンサⅡ
˞SAL%�200V E3では、54素子のセンサを使用しています。

2�	�
 R�	�


૬
ର
ཻ
ࢠ
（ྔ
ੵ
ࢉ
）

૬
ର
ཻ
ࢠ
（ྔ
ස

）

（�N）ܘࢠཻ

14 15

ౡค体測定ثػのϗームϖージ
ɻ͢·͠ڙ৽ใをイϯλーωッτを௨͡てλイムリーにఏ࠷
IUUQT���XXX�BO�TIJNBE[V�cP�KQ�QPXEFS�

製ใだけでなく、๛なアプリケーションใもհしています。
また、セϛφーʗߨशձやలࣔձのごҊ内もしております。
さらに、粉ത࢜のl粉z࠲ߨでは、様々な分野で׆用される「粉体測定の
ॏ要性」と֤種粉体測定の「測定ݪ理」や「測定上のཹ意点」などをわ
かりやすく解આしています。



最1ඵ間ִで、粒子ܘのܦ時มԽを࿈続測定し、ͦ の結果を保存することができます。さらに、結果をࡾ次ݩ表ࣔなどのػ能を使っ
て多֯的に分ੳ・評価することができます。ྫ えば、粒子܈の分ڽ・ࢄ ・ू溶解のԠ過ఔをモχタリングすることができます。

  ߴ ৴པੑߴとޮߴ

Ϩーβճં法 *40 1���0ʗ+*4 ; �����1 ४ڌ
SAL% システムは、Ϩーザ回 。していますڌS0 13320および+*S ; ��25�1に準*֨نཚ法のࢄં・

+*4 ඪ४ཻࢠͰόリσーシϣϯがՄ
装置性能を確認するためのサンプルには、+*S ; ��00�1でن定される標準粒子を使用することができます（SAL%��500nano、SAL%�2300
の場合）。このサンプルは、広い粒子ܘ分を࣋ち、ͦ の分が+*Sでن定されています。このサンプルを使用することで、装置がৗに正確
な状ଶであることをূݕできます。
SAL%�200V E3では、+*S ; ��01でن定される試験用粉体+*S 11種をバリデーションに使用しています。

ٻの҆定ੑをܥֶޫ
શ方Ґিܸٵ収0：ߏػSA'（0NnJEJ SecU Jonal  SIocL  AbToSpU Jon 'SaNe）を࠾用。ޫ ֶ系のશての要素をিܸやৼಈな
どの外ཚからશにִしています。このためޫ࣠調整はほとんど必要ありません。

ϝϯテφϯスが容қ
֤。みましたࠐ能をみػஅݾ力な自ڧ 種センサʗݕग़素子のग़力৴߸や装
置のಈ࡞状گがチェックでき、メンテφンスが容易になりました。また、オペϨー
ションログ（0 p e S a U J o n L o H）ػ 能 により、すべての 測 定データには、装 置 の 使
用 状 گ やセル の Ԛ れ の 状 ଶ などきめ 細 か な  ใ が 同 ෧されており、過 去 にさか
の΅ってデータのଥ性をূݕすることができます。また、セルのԚれ۩合の確
認も可能です。

Ͱき·͢ɻ౼ݕσーλʣのଥੑをܘࢠর͠ながΒ測定݁Ռʢཻࢀ度σーλʢੜσーλʣをڧޫ
同 一 ը 面 に 、ޫ ڧ 度 分  デ ータ（ ੜ デ ータ）と測 定 結 果（ 粒 子 ܘ 分  デ ータ）を
表 ࣔできるので、྆ 方 のデ ータを参 照しな がら測 定 結 果をݕ ূ することができ
ます。
ग़৴߸のϨݕ ϕル（粒子濃度）がద正かどうかのূݕだけでなく、分෯の広さ
や ڽ ू 体 やコンタϛ 分 の 存 在 などを 多 ֯ 的 に ݕ ౼し測 定 結 果 の ଥ  性 を 確
認できます。
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ࢎΧルシウムの溶解過ఔをޫڧ度分データと粒子ܘ分データでࣔしたものです。
溶解はܘのখさい粒子からਐみ、大きな粒子の૬対粒子量が増えていく様子をݟることができます。
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۶ંબのϛスΘͣΒΘ͠͞をղফ

۶ં自動計ػࢉをࡌ
Ϩーザ回 ཚ法ではආけて௨れない۶ં率の選択につࢄં・
いては、จݙを入力する方法などが一般的でしたが、粒子
や形状のӨڹから必ずしもଥとはݴえませんでした。
ͦのため、トライˍΤラーによる۶ં率の選択というࡶな
業も行われてきました。このような問題を解ܾするために࡞
L%3法（LJHIU *nUenTJUZ %JTUSJbVUJon 3epSoEVcUJon MeUIoE、
われる۶ં率を自ಈࢥ現法）に基づいてଥと࠶度分ڧޫ
計算するػ能をੈ界でॳめて載しました。
トップ5（ୈ1൪からୈ5൪まで）の۶ં率のީิが評価ポ
イントとともに表ࣔされ、ͦ の۶ં率を用いた場合の粒子ܘ
分もサムωイルとして表ࣔされます。評価ポイントとサムω
イルを参考にଥな۶ં率を選択することができます。

ओ要物質については、リストから۶ં率を選択することがで
きます。

˞L%3法は、実測されたޫڧ度分と粒子ܘ分データから࠶現（࠶計算）された
度分との一க性からଥな۶ં率を自ಈ計算する手法です。これはฐ社ڧޫ
が開ൃした手法で、2݅のจとしてൃ表され、「下の手法」とݺばれることも
あります。

成によΓいͭ確࣮にಉ一࡞401 ɾ݅ಉ一खॱͰ測定Ͱき·͢

アシスτ測定ػをࡌ
「いつでも、どこでも、୭でも　が同じ測定結果を得られる。」
というコンセプト実現にॏ要なػ能です。࡞・ࢦ定された
S0PにしたがってPC制御による自ಈ測定をਐめることがで
き、オペϨータの࡞業は、サンプルの前処理とサンプル入
だけになります。

前処理方法・݅を含めて測定 ・݅測定手ॱを࡞・保存
しڞ༗することで、オペϨータのަସや、異なる場ॴ・場で
の測定時も同一 ・݅同一手ॱで測定することができ、̓ ৺
してデータ比ֱを行ってけます。さらに測定時に「アシスト
がը面に表ࣔさࣔࢦ業࡞能」を使用することで測定ऀのػ
れますので、オペϨータのܦ験にґることなく正しい測定を
行ってけます。
また、ૢ 限が理ऀとオペϨータに分かれており、セキュݖ࡞
リティについても慮しています。

˞S0Pは、�SUanEaSE 0peSaUJon PSoceEVSe� をུした用ޠです。

ᶄ ධ  Ձ

ᶃ ۶ંのൣғをࢦ定

ᶅ ۶ંとཻܘࢠ計ࢉ
 ݁Ռのީิをදࣔ

測定 ɾ݅ख ʢॱ401ʣを
成ɾอଘ࡞

測定࣌ɺख ɾॱҙ点
なͲを対తにදࣔ測
定खॱのඪ४Խ
͏ͬ ͔Γϛスをࢭʂ

ΦϖϨーλが用Ͱきる
Ͱきるݶを੍ػ

ηキュリテΟػͭき
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測定装置 4"-%シリーズܘࢠཻ 測定装置 4"-%シリーズܘࢠཻ

4"-%シリーズ測定ػ一覧ද

ඪ४తな࣪式測定ख法Ͱ͢࠷

測�定ݪ��ཧ

ثɹग़ɹݕ

Ϩーザ回 ཚ法ࢄં・

ひとつの測定ݪ理、ひとつのޫֶ系、ひとつのޫݯでશ測定ൣғをシームϨスにΧバー

ಋ体Ϩーザ
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�測�定�ൣ�ғ（�N）

（ON）ݯ�ޫ�
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ɹछػ SALD-7500nano SALD-2300 SALD-200V ER

54 素子
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SAL%��500nano用多ػ能サンプラSAL%�MS�5をごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
SAL%�2300用多ػ能サンプラSAL%�MS23をごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
SAL%�200V E3用のサンプラは、標準付ଐされています。
SAL%��500nano用回分セルをごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
SAL%�2300用回分セルをごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
SAL%�200V E3用の回分セルは、標準付ଐされています。
SAL%��500nano用高濃度測定Ϣχットをごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
SAL%�2300用高濃度測定Ϣχットをごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
SAL%�200V E3用高濃度サンプル測定システムをごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
サイクロンࣹסܕ式測定ϢχットSAL%�%S5Sをごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
ଞにコンプϨッサ、ू ਖػが必要です。

˞1 SAL%�MS23およびSAL%�MS�5の分ࢄ槽容量は可มです。100 cN3、200 cN3、300 cN3から選択することができます。

● 測定部にセットされたフローセルとサンプラの分ࢄ槽の間を、ഔ液に分ࢄさせた粒
子܈を循環させながら測定を行ないます。

● 分ࢄ槽には፩ػとԻৼಈ子を内ଂ。 分ࢄさせた懸濁液を、ポンプによってフロ
ーセルにૹります。

● ポンプはഔ液だけでなく、粒子を確実に循環させるために特別に設計されたものです。
● ほとんどの༗ػ溶ഔを分ࢄഔとして使用することができます。

サンプラSALD-MS シリーズ
4"-%������4"-%�����OBOP用

（ϑローηル͕ଐ͍ͯ͠·͢ɻ）

測定部

サンプラ部

ࢄ૧

ଆํࢄཚޫηンα

ཚޫηンαࢄํޙ

લํࢄཚޫηンα

ݯޫ

ϑローηル

ϙンϓ

፩ػ

Իৼಈࢠ

໊��ܕ
4"-%�.4��
4"-%�.4��

分ࢄ槽容量
100ʙ300 cN3 ˞1

100ʙ300 cN3 ˞1

ポンプ最大ྲྀ量
2000cN3�NJn
2000cN3�NJn

ഔ液څڙポンプ
あり
あり

PC制御
可
可

対Ԡػ種
SAL%�2300

SAL%��500nano

測定対象にదͨ͠多࠼なपล装置܈

�4 素子

গྔのサϯϓルとഔ液Ͱ測定Ͱき·͢

● 少量のサンプル（測定対象粒子）とഔ液（分ࢄഔ）で測定できます。
● ༗ػ溶ഔやࢎを使用できます。
● ༗ػ溶ഔやࢎを含Ή懸濁液のഇ液処理が少量でࡁみます。
● ፩プϨートの上下ӡಈで粒子の߱を制します。
● フッԽΤチϨンथࢷ製の࿙ （ేΖうと）がついているので懸濁液が

こ΅れにくくࢦや手につく可能性が少なくなりセルの表面もԚれ
ません。

回分セル SALD-BC シリーズ
4"-%������4"-%�����OBOP用

	࿙ే͓Αͼ፩ߏػ͖


͢·ऍͤͣに測定Ͱきرೱ度サϯϓルをߴ

● Ϩーザ回 。ཚ法を用いて高濃度サンプルの測定を行うことができますࢄં・
● 2ຕのガラス൘の間にサンプルをはさみこΉことによって、ޫ ࿏を極限まで

ॖし、多ॏࢄཚのѱӨڹを回ආします。
● 液のݪ、分がมԽしてしまうようなサンプルをܘऍすることによって粒子ر

ままで、あるいは必要最খ限のرऍだけで測定を行い、測定対象の実૾を正
確にとらえます。

SALD-HC シリーズ
4"-%γϦーζ用
ೱαンϓル測定γεςϜߴ

໊�ܕ
4"-%�#$��
4"-%�#$��

容 量
12cN3

5cN3

対Ԡػ種
SAL%�2300

SAL%��500nano

名 ܕ
SAL%�)C23S
SAL%�)C�5S
SAL%�200VE3�)C

　  対Ԡػ種
SAL%�2300
SAL%��500nano
SAL%�200V E3

ɹɹɹɹ໊�শ
Ψラεࢼྉ൘（����NN）
Ψラεࢼྉ൘（����NN）
Ψラεࢼྉ൘（���NN）
Ψラεࢼྉ൘（���NN）
Ψラεࢼྉ൘（���NN）
Ψラεࢼྉ൘（���NN）
Ψラεࢼྉ൘（���NN）�

　 く̈́ みのਂさ
0�02NN（20�N） 
0�05NN（50�N） 
0�1NN（100�N）
0�2NN（200�N） 
0�3NN（300�N）
0�4NN（400�N） 
0�5NN（500�N） 

サンプル量
 0�006cN3

 0�015cN3

 0�03cN3

 0�06cN3

 0�0�cN3

 0�12cN3

 0�15cN3

粒子濃度（ॏ量�）

数ඦppNʙ数�

中途端な濃度のサンプル、ඇৗに高価で極少量しか使えないサンプル、極少量しか࠾औできないサンプル
の測定に༗ޮです。

ガϥス試料൘ ʢく̈́ Έきスϥイυάϥスɺ4"-%�)$��4���4にඪ४ଐʣ

அ໘

̈́͘ Έͷਂ͞

Ψラεࢼྉ൘（̈́͘ Έ͖εラΠυάラε）

ԁܗͷ̈́͘ Έ

Ψラεࢼྉ൘

εラΠυάラε

ܗ֎˙

用˙ （ྫ̈́͘ Έηル）

αンϓル

࿙ （ేΖ͏ ͱ）

Ϩーβޫ ճηル

্Լӡಈͷ
εトローΫ

፩用ϓϨート

˞ 「ガラス試料൘（く΅み付スライυグラス）」は、高濃度サンプル測定システム用のオプションセルです。
 測定を行うには、高濃度サンプル測定システムが必要です。
˞ ガラス試料൘（0�02NN）のく΅み形状はۣ形です。
˞ SAL%�200VE3�)Cには付ଐしません。（別ച）

௨ৗの回分セルおよびフローセルを用いた場合

2ຕのガラス൘でサンプルをڬんだ場合

ޫ࿏

ଆ方�後方ࢄཚޫ
ޫ࿏

ガラス൘（スライυグラス）

フローセルまたは回分セル

Ϩーβޫ

Ϩーβޫ

多
重
散
乱
光

回
折
・
散
乱
光
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測定装置 4"-%シリーズܘࢠཻ 測定装置 4"-%シリーズܘࢠཻ

4"-%シリーズ測定ػ一覧ද

ඪ४తな࣪式測定ख法Ͱ͢࠷

測�定ݪ��ཧ

ثɹग़ɹݕ

Ϩーザ回 ཚ法ࢄં・

ひとつの測定ݪ理、ひとつのޫֶ系、ひとつのޫݯでશ測定ൣғをシームϨスにΧバー

ಋ体Ϩーザ

0�00�ʙ�00

405

0�01�ʙ2500

6�0

0�25ʙ350

6�0

αンϓラ	॥ࣜ


ճηル	όονࣜ


ೱαンϓルߴ

�ࣹܕ�

࣪�ࣜ�測�定

�測�定ࣜ�ס

�測�定�ൣ�ғ（�N）

（ON）ݯ�ޫ�

ੑɹ
ɹछػ SALD-7500nano SALD-2300 SALD-200V ER

54 素子

˓˞1

˓˞4

˓˞�

˓˞2

˓˞5

˓˞�

˓˞10

˓˞3

˓˞6

˓˞�

˞1
˞2
˞3
˞4
˞5
˞6
˞�
˞�
˞� 
˞10 

SAL%��500nano用多ػ能サンプラSAL%�MS�5をごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
SAL%�2300用多ػ能サンプラSAL%�MS23をごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
SAL%�200V E3用のサンプラは、標準付ଐされています。
SAL%��500nano用回分セルをごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
SAL%�2300用回分セルをごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
SAL%�200V E3用の回分セルは、標準付ଐされています。
SAL%��500nano用高濃度測定Ϣχットをごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
SAL%�2300用高濃度測定Ϣχットをごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
SAL%�200V E3用高濃度サンプル測定システムをごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
サイクロンࣹסܕ式測定ϢχットSAL%�%S5Sをごར用ください。本体（測定部）とは別ചです。
ଞにコンプϨッサ、ू ਖػが必要です。

˞1 SAL%�MS23およびSAL%�MS�5の分ࢄ槽容量は可มです。100 cN3、200 cN3、300 cN3から選択することができます。

● 測定部にセットされたフローセルとサンプラの分ࢄ槽の間を、ഔ液に分ࢄさせた粒
子܈を循環させながら測定を行ないます。

● 分ࢄ槽には፩ػとԻৼಈ子を内ଂ。 分ࢄさせた懸濁液を、ポンプによってフロ
ーセルにૹります。

● ポンプはഔ液だけでなく、粒子を確実に循環させるために特別に設計されたものです。
● ほとんどの༗ػ溶ഔを分ࢄഔとして使用することができます。

サンプラSALD-MS シリーズ
4"-%������4"-%�����OBOP用

（ϑローηル͕ଐ͍ͯ͠·͢ɻ）

測定部

サンプラ部

ࢄ૧

ଆํࢄཚޫηンα

ཚޫηンαࢄํޙ

લํࢄཚޫηンα

ݯޫ

ϑローηル

ϙンϓ

፩ػ

Իৼಈࢠ

໊��ܕ
4"-%�.4��
4"-%�.4��

分ࢄ槽容量
100ʙ300 cN3 ˞1

100ʙ300 cN3 ˞1

ポンプ最大ྲྀ量
2000cN3�NJn
2000cN3�NJn

ഔ液څڙポンプ
あり
あり

PC制御
可
可

対Ԡػ種
SAL%�2300

SAL%��500nano

測定対象にదͨ͠多࠼なपล装置܈

�4 素子

গྔのサϯϓルとഔ液Ͱ測定Ͱき·͢

● 少量のサンプル（測定対象粒子）とഔ液（分ࢄഔ）で測定できます。
● ༗ػ溶ഔやࢎを使用できます。
● ༗ػ溶ഔやࢎを含Ή懸濁液のഇ液処理が少量でࡁみます。
● ፩プϨートの上下ӡಈで粒子の߱を制します。
● フッԽΤチϨンथࢷ製の࿙ （ేΖうと）がついているので懸濁液が

こ΅れにくくࢦや手につく可能性が少なくなりセルの表面もԚれ
ません。

回分セル SALD-BC シリーズ
4"-%������4"-%�����OBOP用

	࿙ే͓Αͼ፩ߏػ͖


͢·ऍͤͣに測定Ͱきرೱ度サϯϓルをߴ

● Ϩーザ回 。ཚ法を用いて高濃度サンプルの測定を行うことができますࢄં・
● 2ຕのガラス൘の間にサンプルをはさみこΉことによって、ޫ ࿏を極限まで

ॖし、多ॏࢄཚのѱӨڹを回ආします。
● 液のݪ、分がมԽしてしまうようなサンプルをܘऍすることによって粒子ر

ままで、あるいは必要最খ限のرऍだけで測定を行い、測定対象の実૾を正
確にとらえます。

SALD-HC シリーズ
4"-%γϦーζ用
ೱαンϓル測定γεςϜߴ

໊�ܕ
4"-%�#$��
4"-%�#$��

容 量
12cN3

5cN3

対Ԡػ種
SAL%�2300

SAL%��500nano

名 ܕ
SAL%�)C23S
SAL%�)C�5S
SAL%�200VE3�)C

　  対Ԡػ種
SAL%�2300
SAL%��500nano
SAL%�200V E3

ɹɹɹɹ໊�শ
Ψラεࢼྉ൘（����NN）
Ψラεࢼྉ൘（����NN）
Ψラεࢼྉ൘（���NN）
Ψラεࢼྉ൘（���NN）
Ψラεࢼྉ൘（���NN）
Ψラεࢼྉ൘（���NN）
Ψラεࢼྉ൘（���NN）�

　 く̈́ みのਂさ
0�02NN（20�N） 
0�05NN（50�N） 
0�1NN（100�N）
0�2NN（200�N） 
0�3NN（300�N）
0�4NN（400�N） 
0�5NN（500�N） 

サンプル量
 0�006cN3

 0�015cN3

 0�03cN3

 0�06cN3

 0�0�cN3

 0�12cN3

 0�15cN3

粒子濃度（ॏ量�）

数ඦppNʙ数�

中途端な濃度のサンプル、ඇৗに高価で極少量しか使えないサンプル、極少量しか࠾औできないサンプル
の測定に༗ޮです。

ガϥス試料൘ ʢく̈́ Έきスϥイυάϥスɺ4"-%�)$��4���4にඪ४ଐʣ

அ໘

̈́͘ Έͷਂ͞

Ψラεࢼྉ൘（̈́͘ Έ͖εラΠυάラε）

ԁܗͷ̈́͘ Έ

Ψラεࢼྉ൘

εラΠυάラε

ܗ֎˙

用˙ （ྫ̈́͘ Έηル）

αンϓル

࿙ （ేΖ ͱ͏）

Ϩーβޫ ճηル

্Լӡಈͷ
εトローΫ

፩用ϓϨート

˞ 「ガラス試料൘（く΅み付スライυグラス）」は、高濃度サンプル測定システム用のオプションセルです。
 測定を行うには、高濃度サンプル測定システムが必要です。
˞ ガラス試料൘（0�02NN）のく΅み形状はۣ形です。
˞ SAL%�200VE3�)Cには付ଐしません。（別ച）

௨ৗの回分セルおよびフローセルを用いた場合

2ຕのガラス൘でサンプルをڬんだ場合

ޫ࿏

ଆ方�後方ࢄཚޫ
ޫ࿏

ガラス൘（スライυグラス）

フローセルまたは回分セル

Ϩーβޫ

Ϩーβޫ

多
重
散
乱
光

回
折
・
散
乱
光
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測定装置 4"-%シリーズܘࢠཻ
คサϯϓルをͦの··Ͱ測定

● ࣹסܕ式測定は、圧ࡡ空気を用いて、ノズルから測定対象となる粉
体をࣹし、空気中に分ࢄさせて測定する方式です。࣪ 式測定では
対Ԡできない測定対象や測定的の粒子ܘ分測定を実現します。

　　　　●  ਫや分ࢄഔに溶解してしまうため、࣪ 式では測定できない
ҩ薬や৯

　　　　●  粉体ృ料のようにͦの使用的ʗ݅から考えて、ס式で
測定すべきサンプルなどの測定に最దです。

● 3種類のサンプルٵҾߏػ（サイクロン方式、ϫンショット方式、ϋン
υショット方式）と4種類のࣹノズルをར用して、サンプルの特性
や量に合わせて最దなみ合わせで測定を行うことができます。

● サイクロン方式では、ઐ用試料容ثに装填したサ
ンプルをટ回させながらٵҾし、さらにノズルか
らࣹして測定を行います。ٵҾとࣹの2ஈ֊
で分ࢄ力が࡞用するため、ूڽ体を多数含Ήサ
ンプルについても࠶現性のよい測定が実現でき
ます。また試料容ثを使用するので、サンプルの
ඈࢄがなく、オペϨータの手もԚれません。

● ϫンショット方式では、খさなϗッύにサンプルを
入するだけで測定でき、少量のサンプルにదし
ています。（オプション）

● ϋンυショット方式ではϏーΧや薬แࢴから直接
サンプルをٵ Ҿし測定 することができます。

（オプション）
● 4種類のࣹノズル
・ 標準分ࢄノズル
・ �2�5NN分ࢄノズル（オプション）˞ 2

が必要な微粒子向けࢄ力な分ڧ  
・ �3�0NN分ࢄノズル（オプション）˞ 2

が必要なやや大きい微粒子向けࢄ力な分ڧ  
・ ストϨートノズル（オプション）
  ऑい分ࢄが必要なյれやすい粒子向け

˞2はセットオプションです。

SALD-DS5S
4"-%�����用
αΠΫロンࣹࣜסܕ測定Ϣχοト

SAL%�2300にサイクロンࣹסܕ式測定ϢχットSAL%�%S5S
を装着

˞1：本体（測定部）のଞにコンプϨッサ、ू ਖػが必要です。

໊�ܕ
4"-%�%4�4�GPS�����

対Ԡػ種
SAL%�2300

αンϓルٵҾߏػ

ΤジΣΫλ

ϗού

ޱೖؾۭࢭྲྀٯ

ΤジΣΫλ

ΤΞόルϒ

コンϓϨοα
（ѹॖۭݯؾ）

ूਖ͕ػಈ͍ͯ͠࡞Δͱ͖͚ͩɺ
ΤΞόルϒΛ։͚ͯαンϓルΛ
ࣹͰ͖Δɻ

�छྨ
ࣹϊζル

ࣹ

8JOH ηϯサ
（લํճੳɾࢄཚޫηンα）

ճੳɾࢄཚޫ
ूޫϨンζ
܈ࢠཻ

測定෦

ूਖػಈ࡞
֬ೝ用ѹྗ
ηンα

Ҿٵ

ϨーβϏーム

1$

Ҿνューϒٵ

Ҿϊζルٵ

खݩεΠον

ϫンγϣοトํࣜ
（Φϓγϣン）

ϋンυγϣοトํࣜ
（Φϓγϣン）

αΠΫロンํࣜ
ूਖػ

ѹྗௐઅߏػ
（ޚ1$੍）

Ϩーβճ ɾંࢄཚ法ʢ-BTFS %J⒎SBcUJPO .FUIPEʣ
� 測定装置 4"-% シリーズの測定原理ܘࢠཻ �

が度ύλーϯのؒにはɺ1対1のؔڧとޫܘࢠཻ ● Γ͋·͢ɻ
粒子にϨーザϏームを照ࣹすると、ͦ の粒子からは前後・上下ࠨ・ ӈとあらΏる方
向にޫがൃせられます。これが「回 。ཚޫ」ですࢄં・
回 度分ύターンをڧཚ֯度とともにมԽし、空間的なࢄ、さはڧཚޫのࢄં・
ඳきます。これが「ޫڧ度分ύターン」です。
粒子ܘが大きい場合、粒子からൃせられる回 ཚޫは前方(ϨーザϏームのਐࢄં・
行方向)にू中し、図では表現できないほどのڱい֯度ൣғでܹしくมಈします。
前方のޫに比べると、ͦ れ以外の方向のޫはඇৗにऑいものとなります。
粒子ܘがখさくなるにつれ、回 ཚޫのύターンは前方方向から周ล広ࢄં・
がっていきます。 粒子ܘがさらにখさくなると、ଆ方ޫや後方ޫもڧくなってきま
す。このとき、ޫ 度分ύターンは、まるで「マϢ」や「ひΐうたん」のような形にڧ
なってあらΏる方向に広がっていきます。 
このように粒子ܘとޫڧ度分ύターンの間には、1対1の対Ԡ関係が存在してい
ます。つまり、ޫ 。がわかるわけですܘग़すれば粒子ݕ度分ύターンをڧ

● 測定対象はཻ܈ࢠͰ͢ɻ
実ࡍの粒子ܘ分測定では、測定対象は୯一の粒子ではなく多数の粒子からな
る「粒子܈」です。 粒子܈には大きさの異なる多数の粒子がࠞ在しており、ൃ せら
れるޫڧ度分ύターンはͦれͧれの粒子からの回 ཚޫのॏͶ合わせとࢄં・
なります。このॏͶあわされたޫڧ度分ύターンをݕग़して解ੳすることで、

「どれくらいの大きさの粒子がどれくらいのׂ合で含まれているか（粒子ܘ分）」
をٻめることができます。これがϨーザ回ં式粒子ܘ分測定装置で࠾用されて
いる「Ϩーザ回  。ཚ法」の基本的な考え方ですࢄં・

● 4"-%シリーズのޫֶܥ 
からൃせられたϨーザϏームはコリメータによって少しଠい（ಋ体Ϩーザ）ݯޫ
Ϗームにมされ、粒子܈に照ࣹされます。
粒子܈からൃせられた前方の回 ڑཚޫはϨンズによってूޫされ、য点ࢄં・
のҐ置にあるݕग़面に同৺ԁ状の回 ཚ૾を結びます。これは、同৺ԁ状にࢄં・
डޫ素子が置されたWJnHセンサでݕग़されます。
ଆ方や後方のࢄཚޫもଆ方および後方ࢄཚޫセンサでݕग़されます。このように
してݕग़されたશての方向のޫڧ度に基づいて粒子ܘ分が計算されます。

（ただし、SAL%�200V E3は前方の回 めていまٻ分をܘཚޫだけで粒子ࢄં・
す。）

�����N

�����N

�����N

�����N

�����N

�����N

�����N

ύλーンͷؔڧͱޫܘࢠཻ
4"-%�γϦーζͷޫֶܥ

（ଆํ）

（ଆํ）

ݱཚࢄΑΔճੳɾʹࢠཻ

（લํ）（ํޙ） Ϩーβޫ

ཚ֯ࢄ

ཚޫࢄ

ࢠཻ
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測定装置 4"-%シリーズܘࢠཻ
คサϯϓルをͦの··Ͱ測定

● ࣹסܕ式測定は、圧ࡡ空気を用いて、ノズルから測定対象となる粉
体をࣹし、空気中に分ࢄさせて測定する方式です。࣪ 式測定では
対Ԡできない測定対象や測定的の粒子ܘ分測定を実現します。

　　　　●  ਫや分ࢄഔに溶解してしまうため、࣪ 式では測定できない
ҩ薬や৯

　　　　●  粉体ృ料のようにͦの使用的ʗ݅から考えて、ס式で
測定すべきサンプルなどの測定に最దです。

● 3種類のサンプルٵҾߏػ（サイクロン方式、ϫンショット方式、ϋン
υショット方式）と4種類のࣹノズルをར用して、サンプルの特性
や量に合わせて最దなみ合わせで測定を行うことができます。

● サイクロン方式では、ઐ用試料容ثに装填したサ
ンプルをટ回させながらٵҾし、さらにノズルか
らࣹして測定を行います。ٵҾとࣹの2ஈ֊
で分ࢄ力が࡞用するため、ूڽ体を多数含Ήサ
ンプルについても࠶現性のよい測定が実現でき
ます。また試料容ثを使用するので、サンプルの
ඈࢄがなく、オペϨータの手もԚれません。

● ϫンショット方式では、খさなϗッύにサンプルを
入するだけで測定でき、少量のサンプルにదし
ています。（オプション）

● ϋンυショット方式ではϏーΧや薬แࢴから直接
サンプルをٵҾし測定することができます。

（オプション）
● 4種類のࣹノズル
・ 標準分ࢄノズル
・ �2�5NN分ࢄノズル（オプション）˞ 2

が必要な微粒子向けࢄ力な分ڧ  
・ �3�0NN分ࢄノズル（オプション）˞ 2

が必要なやや大きい微粒子向けࢄ力な分ڧ  
・ ストϨートノズル（オプション）
  ऑい分ࢄが必要なյれやすい粒子向け

˞2はセットオプションです。

SALD-DS5S
4"-%�����用
αΠΫロンࣹࣜסܕ測定Ϣχοト

SAL%�2300にサイクロンࣹסܕ式測定ϢχットSAL%�%S5S
を装着

˞1：本体（測定部）のଞにコンプϨッサ、ू ਖػが必要です。

໊�ܕ
4"-%�%4�4�GPS�����

対Ԡػ種
SAL%�2300

αンϓルٵҾߏػ

ΤジΣΫλ

ϗού

ޱೖؾۭࢭྲྀٯ

ΤジΣΫλ

ΤΞόルϒ

コンϓϨοα
（ѹॖۭݯؾ）

ूਖ͕ػಈ͍ͯ͠࡞Δͱ͖͚ͩɺ
ΤΞόルϒΛ։͚ͯαンϓルΛ
ࣹͰ͖Δɻ

�छྨ
ࣹϊζル

ࣹ

8JOH ηϯサ
（લํճੳɾࢄཚޫηンα）

ճੳɾࢄཚޫ
ूޫϨンζ
܈ࢠཻ

測定෦

ूਖػಈ࡞
֬ೝ用ѹྗ
ηンα

Ҿٵ

ϨーβϏーム

1$

Ҿνューϒٵ

Ҿϊζルٵ

खݩεΠον

ϫンγϣοトํࣜ
（Φϓγϣン）

ϋンυγϣοトํࣜ
（Φϓγϣン）

αΠΫロンํࣜ
ूਖػ

ѹྗௐઅߏػ
（ޚ1$੍）

Ϩーβճ ɾંࢄཚ法ʢ-BTFS %J⒎SBcUJPO .FUIPEʣ
� 測定装置 4"-% シリーズの測定原理ܘࢠཻ �

が度ύλーϯのؒにはɺ1対1のؔڧとޫܘࢠཻ ● Γ͋·͢ɻ
粒子にϨーザϏームを照ࣹすると、ͦ の粒子からは前後・上下ࠨ・ ӈとあらΏる方
向にޫがൃせられます。これが「回 。ཚޫ」ですࢄં・
回 度分ύターンをڧཚ֯度とともにมԽし、空間的なࢄ、さはڧཚޫのࢄં・
ඳきます。これが「ޫڧ度分ύターン」です。
粒子ܘが大きい場合、粒子からൃせられる回 ཚޫは前方(ϨーザϏームのਐࢄં・
行方向)にू中し、図では表現できないほどのڱい֯度ൣғでܹしくมಈします。
前方のޫに比べると、ͦ れ以外の方向のޫはඇৗにऑいものとなります。
粒子ܘがখさくなるにつれ、回 ཚޫのύターンは前方方向から周ล広ࢄં・
がっていきます。 粒子ܘがさらにখさくなると、ଆ方ޫや後方ޫもڧくなってきま
す。このとき、ޫ 度分ύターンは、まるで「マϢ」や「ひΐうたん」のような形にڧ
なってあらΏる方向に広がっていきます。 
このように粒子ܘとޫڧ度分ύターンの間には、1対1の対Ԡ関係が存在してい
ます。つまり、ޫ 。がわかるわけですܘग़すれば粒子ݕ度分ύターンをڧ

● 測定対象はཻ܈ࢠͰ͢ɻ
実ࡍの粒子ܘ分測定では、測定対象は୯一の粒子ではなく多数の粒子からな
る「粒子܈」です。 粒子܈には大きさの異なる多数の粒子がࠞ在しており、ൃ せら
れるޫڧ度分ύターンはͦれͧれの粒子からの回 ཚޫのॏͶ合わせとࢄં・
なります。このॏͶあわされたޫڧ度分ύターンをݕग़して解ੳすることで、

「どれくらいの大きさの粒子がどれくらいのׂ合で含まれているか（粒子ܘ分）」
をٻめることができます。これがϨーザ回ં式粒子ܘ分測定装置で࠾用されて
いる「Ϩーザ回  。ཚ法」の基本的な考え方ですࢄં・

● 4"-%シリーズのޫֶܥ 
からൃせられたϨーザϏームはコリメータによって少しଠい（ಋ体Ϩーザ）ݯޫ
Ϗームにมされ、粒子܈に照ࣹされます。
粒子܈からൃせられた前方の回 ڑཚޫはϨンズによってूޫされ、য点ࢄં・
のҐ置にあるݕग़面に同৺ԁ状の回 ཚ૾を結びます。これは、同৺ԁ状にࢄં・
डޫ素子が置されたWJnHセンサでݕग़されます。
ଆ方や後方のࢄཚޫもଆ方および後方ࢄཚޫセンサでݕग़されます。このように
してݕग़されたશての方向のޫڧ度に基づいて粒子ܘ分が計算されます。

（ただし、SAL%�200V E3は前方の回 めていまٻ分をܘཚޫだけで粒子ࢄં・
す。）

�����N

�����N

�����N

�����N

�����N

�����N

�����N

ύλーンͷؔڧͱޫܘࢠཻ
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ൺද໘積ɾࡉ測定装置 ൺද໘積ɾࡉ測定装置

͔ࡉ͕ࢠཻ ͳ͘Δͱͦͷൺද໘ੵ͕増େ͠·͢ɻ
͜ͷେ͖ͳൺද໘ੵ͕ค体ಠಛͷੑ࣭ΛੜΈग़͠·͢ɻ
ͦͷͨΊɺൺද໘ੵࡉค体ͷධՁʹ͔ܽͤͳ͍߲ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ

ൺද໘積測定装置のおな用్

●ค体のൺද໘積と測定装置のؔ

৮ഔ・׆性・थࢷ・Խহ・薬・セラϛックス・࣓ 性إ・ࡐ料
Χーボンブラック・セメント・ણҡ・ٵ着ࡎ・೩料ిのి極特性評価ほか

測定装置のおな用్ࡉ

●多体のࡉܘと測定装置のؔ

৮ഔ・セラϛックス・थࢷ・ガラス・ి 極ࡐ・ણҡ・ٵ・ࢴ着ࡎ
フィルム・ম結体・֩ ೩料・ං料・薬・إ料ほか

 ๆߴ࠷測定装置のࡉൺද໘積ʗͨ͠ݱに࣮࣌とϋイスルーϓッτをಉੑߴ

● 様々なχーズに対Ԡした3 ポートを載（最大3 ポートまでマイクロポア測定可能）
● ֤マイクロ孔ポートに0�15oSS、105oSS 圧トランスデューサーを載 
● 高気密のシールにより、࿙れのないバルブ切りସえを行う316ステンϨス߯

VC3 ܧ手とマχϗールυ
● ,Sガスによる比表面積測定が標準仕様でར用可能
● 空気圧ۦಈバルブによりリークフリーをఏڙ
● 高度な自ಈஅػ能を載
● メンテφンスが容易な設計

৮ഔの分野で෯広く用いられているθオライト・׆性・M0'・PCP などのマ
イクロポア細孔分測定から、ৠ気ٵ着による細孔表面の・ૄ ਫ性の評価
までをこの1 台で、3 サンプル同時測定可能 
�M0'（MeUal 0SHanJc 'SaNeXoSL）：ۚ ଐ༗ߏػ体 
PCP（PoSoVT CooSEJnaUJon PolZNeS）：多孔性Ґ高分子 

3Flex™
多ݕ体ੑߴൺද໘積ʗࡉ測定装置
マイクロメリティックス社製

測 定 法： 定容法によるガスٵ着法 
測定ൣғ： 比表面積 0�01N2�H 以上（窒素使用時） 
  0�0005N2�H 以上（クリプトン使用時） 
 細孔分 直ܘ  0�35ʙ500 nN 
前処理装置（外付けオプション）  フロープϨップ060（加ガスフロー方式） 
  バキュプϨップ061（加真空ഉ気方式ʗ加ガスフロー方式） 

ղੳιϑトʮ.JDSP"DUJWFʯʹ ΑΓɺεϜーζʹσーλΛղੳ
グラフのը面上でマウスでൣғをࢦ定することで容易にグラフの֦大ができます。またBE5
法、U�プロット法、B+)法、)�,法、%'5 法などの解ੳൣғやύラメータの設定がグラフ上で容
易に行えます。

૬ରѹ����ͱ͍͏ۃѹҬ͔Βੑݱ࠶ͷ͍ߴσーλΛऔಘʂ
θオライトのようにマイクロポアを༗するサンプルの細孔分をٻめるためには極૬対圧からのٵ着等温ઢの測定が必要ෆ可ܽ
です。3'leYではリークの少ないߏおよび意に設定可能なガスのಋ入量によりඇৗに正確な等温ઢを૬対圧1ʷ10��オーμー
から測定することができます。 

トラΠελーⅡ1MVTܗ�����

ジΣϛχⅦ����（Qܗ）

�'MFY

ϑローιーϒⅢܗ����

トラΠελーⅡ1MVT ܗ����

�'MFY

ジΣϛχⅦ����

ϑローιーϒⅢܗ����

トラΠελーⅡ1MVT ܗ����

�'MFY

ジΣϛχⅦ����

0.35nm

MJcSoAcUJve ը面ྫ

Ϛイクϩϙアࡉ測定

サϯϓル ɿ θΦϥイτɹɹガス ɿ ૉガスɹɹྫྷഔ ɿ 液体ૉʢ��,ʣ
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ൺද໘積ɾࡉ測定装置 ൺද໘積ɾࡉ測定装置
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● 様々なχーズに対Ԡした3 ポートを載（最大3 ポートまでマイクロポア測定可能）
● ֤マイクロ孔ポートに0�15oSS、105oSS 圧トランスデューサーを載 
● 高気密のシールにより、࿙れのないバルブ切りସえを行う316ステンϨス߯

VC3 ܧ手とマχϗールυ
● ,Sガスによる比表面積測定が標準仕様でར用可能
● 空気圧ۦಈバルブによりリークフリーをఏڙ
● 高度な自ಈஅػ能を載
● メンテφンスが容易な設計

৮ഔの分野で෯広く用いられているθオライト・׆性・M0'・PCP などのマ
イクロポア細孔分測定から、ৠ気ٵ着による細孔表面の・ૄ ਫ性の評価
までをこの1 台で、3 サンプル同時測定可能 
�M0'（MeUal 0SHanJc 'SaNeXoSL）：ۚ ଐ༗ߏػ体 
PCP（PoSoVT CooSEJnaUJon PolZNeS）：多孔性Ґ高分子 
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多ݕ体ੑߴൺද໘積ʗࡉ測定装置
マイクロメリティックス社製
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測定ൣғ： 比表面積 0�01N2�H 以上（窒素使用時） 
  0�0005N2�H 以上（クリプトン使用時） 
 細孔分 直ܘ  0�35ʙ500 nN 
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ൺද໘積ɾࡉ測定装置

#&51点法ൺද໘積をਝに測定Ͱき·͢ɻ

● 表面積は直ಡできる形で表ࣔされます。
● 。用しています࠾を（%5C）ثग़ݕग़には、ಋ度ݕ着量のٵ
● 温調つきのಋ度ݕग़ثの࠾用によって、高感度で҆定性はൈ܈です。
● 試料ྫྷ٫用デュϫーびんのΤϨϕータߏػとஆ気フΝンを内ଂしています。

2310
ྲྀ動式ൺද໘積測定装置
ϑϩーιーϒᶙ

マイクロメリティックス社製

測定法： ࿈続ྲྀಈ法
測定ൣғ： 0�01N2�H以上

�ͭの測定ϙーτͰಠཱಉ࣌測定ߴɺ ਫ਼度とޮߴをཱ྆ɻ

● શੈ界で圧的なシェアをތるマイクロメリティックス社製比表面積ʗ細孔分測定装置
のスタンμーυです。 

● 標準形モデルに加えて比表面積測定に最దなクリプトン対Ԡ形モデルをラインφップ。
● 3つの測定ポートは、ݸ々に高精度圧力トランスデューサを装උ、ಠཱした݅で3試料の同

時測定が可能。
● 30時間の࿈続無ਓӡసができます。

3030γϦーζ
自動ൺද໘積ʗࡉ測定装置
τϥイスλーⅡ�1MVT

マイクロメリティックス社製

測 定 法：定容法によるガスٵ着法 
測定ൣғ： 比表面積 0�01 N2�H 以上（標準形モデル） 
  0�001 N2�H 以上（クリプトン対Ԡ形モデル） 
  メソポア細孔分　直1 ܘʙ100 nN（窒素、B+)法による） 
  マイクロポア細孔分　直0 ܘ��ʙ2 nN 
試料前処理装置（外付けオプション） 
　フロープϨップ060LB（加ガスフロー方式） 
　バキュプϨップ061LB（加真空ഉ気方式ʗ加ガスフロー方式） 

Ϣχークな動త定ѹ法を࠾用ߴɺ ɻݱग़とਝ測定を࣮ݕ度ײ

● ジェϛχ（ʹ子）の名前のとおり、同一形状のセルを2本同時に使用するϢχークなಈ的
定圧法を࠾用し、定容法に比べて高感度ݕग़・ਝ測定を実現しています。

● BE5比表面積測定を中৺に設計され、高いコストύフΥーマンスを実現しています。
● a形とp形の2つのモデルをラインφップしています。p形ではメソポア解ੳが可能（1ʙ

100nN）です。またৠ気圧（Po）ઐ用ポートを装උしています。

2390γϦーζ
自動ൺද໘積測定装置
ジΣϛχᶝ

マイクロメリティックス社製

測 定 法： ಈ的定圧法による温ガスٵ着法 
測定ൣғ： 比表面積 0�01 N2�H 以上
試料前処理装置（外付けオプション） 
　フロープϨップ060（加ガスフロー方式）
　バキュプϨップ061（加真空ഉ気方式ʗ加ガスフロー方式） 

ガスٵண法によるൺද໘積ʗࡉ測定

ただし、このままでは୯分子層ٵ着量、つまり試料表面の一層
だけのガス分子の量を正確にಡみऔることはできません。一層
のٵ着から、多層ٵ着にҠ行する過ఔのใに対して、「BE5
の式」をద用することにより、正確に୯分子層ٵ着量を計算する
ことができます。実ࡍの測定には、ガス分子一ݸの占める試料
表面積がわかっているガスを用います。ͦ して、୯分子層ٵ着
量にガス分子一ݸの占めるஅ面積をかければ、試料の表面積
をٻめることができます。

● ガスࢠのٵணとѹྗのมԽ

● ガスࢠのॖڽとࡉ
さらに試料表面にガス分子がԿ層もٵ着していくうちに、細
孔、つまり試料表面に存在する微細な݀の中にガス分子が
。しますॖڽ
このとき、大量のガス分子が気体から液体にมԽするので、
細孔内でॖڽがおこったかどうかは、ガス分子のٵ着量の
৳びを視していればわかります。
こったときの圧力は、細孔の大きさと૬関があるىがॖڽ
ことがられています。また、ٵ着量の৳びは細孔の内容積
に比ྫしていますので、上のグラフから細孔の容積の分、
つまり細孔分をٻめることができます。

● サϒφϊྖҬのٵணڍ動
サブφノྖҬ（1nN以下）の細孔では、ॖڽ現象がىこりません。したがってٵ着量のܹٸなมԽを、細孔内のガス分子のॖڽ
と考えることができません。このためサブφノྖҬでは、ॖڽとはશく異なるٵ着メΧχズムに基づく解ੳ方法がద用されます。
よく使用されるのが),法、S'法、C:法などฏۉポテンシャルに基づく方法、層状ٵ着を֦張して考えるMP法、異なるガス分子を
。着させる分子プローブ法などですٵ

ணͤ͞ɺͦٵΛࢠண༗໘ੵͷΘ͔ͬͨΨεٵʹྉ（測定ର）ͷද໘ࢼ ͷྔ͔Βࢼྉͷൺද໘ੵΛٻΊͨΓɺ
Ψεࢠͷ͔ॖڽΒࡉΛ測定͢Δํ๏Ͱ͢ɻ

試料をྫྷ٫した後、窒素ガスのように試料とԠをىこしにく
いガスをਧきࠐΉと、試料表面にガス分子がٵ着します。

1

表面શ体がガス分子で෴われた後は、ガス分子の上にガス分子がॏなって多層ٵ着します。この様子は、グラフにࣔすように、圧力
のมԽに対するٵ着量のมԽとして表現できます。

ਧきࠐΉガスの量を増やすと、試料表面はガス分子で෴われ
ていきます。

2

3

૬対ѹ1�1P

吸
着
量

૬対ѹ1�1P

吸
着
量

૬対ѹ1�1P

吸
着
量

૬対ѹ1�1P
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着
量

૬対ѹ1�1P

吸
着
量
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ൺද໘積ɾࡉ測定装置

#&51点法ൺද໘積をਝに測定Ͱき·͢ɻ

● 表面積は直ಡできる形で表ࣔされます。
● 。用しています࠾を（%5C）ثग़ݕग़には、ಋ度ݕ着量のٵ
● 温調つきのಋ度ݕग़ثの࠾用によって、高感度で҆定性はൈ܈です。
● 試料ྫྷ٫用デュϫーびんのΤϨϕータߏػとஆ気フΝンを内ଂしています。

2310
ྲྀ動式ൺද໘積測定装置
ϑϩーιーϒᶙ

マイクロメリティックス社製

測定法： ࿈続ྲྀಈ法
測定ൣғ： 0�01N2�H以上

�ͭの測定ϙーτͰಠཱಉ࣌測定ߴɺ ਫ਼度とޮߴをཱ྆ɻ

● શੈ界で圧的なシェアをތるマイクロメリティックス社製比表面積ʗ細孔分測定装置
のスタンμーυです。 

● 標準形モデルに加えて比表面積測定に最దなクリプトン対Ԡ形モデルをラインφップ。
● 3つの測定ポートは、ݸ々に高精度圧力トランスデューサを装උ、ಠཱした݅で3試料の同

時測定が可能。
● 30時間の࿈続無ਓӡసができます。

3030γϦーζ
自動ൺද໘積ʗࡉ測定装置
τϥイスλーⅡ�1MVT

マイクロメリティックス社製

測 定 法：定容法によるガスٵ着法 
測定ൣғ： 比表面積 0�01 N2�H 以上（標準形モデル） 
  0�001 N2�H 以上（クリプトン対Ԡ形モデル） 
  メソポア細孔分　直1 ܘʙ100 nN（窒素、B+)法による） 
  マイクロポア細孔分　直0 ܘ��ʙ2 nN 
試料前処理装置（外付けオプション） 
　フロープϨップ060LB（加ガスフロー方式） 
　バキュプϨップ061LB（加真空ഉ気方式ʗ加ガスフロー方式） 

Ϣχークな動త定ѹ法を࠾用ߴɺ ɻݱग़とਝ測定を࣮ݕ度ײ

● ジェϛχ（ʹ子）の名前のとおり、同一形状のセルを2本同時に使用するϢχークなಈ的
定圧法を࠾用し、定容法に比べて高感度ݕग़・ਝ測定を実現しています。

● BE5比表面積測定を中৺に設計され、高いコストύフΥーマンスを実現しています。
● a形とp形の2つのモデルをラインφップしています。p形ではメソポア解ੳが可能（1ʙ

100nN）です。またৠ気圧（Po）ઐ用ポートを装උしています。

2390γϦーζ
自動ൺද໘積測定装置
ジΣϛχᶝ

マイクロメリティックス社製

測 定 法： ಈ的定圧法による温ガスٵ着法 
測定ൣғ： 比表面積 0�01 N2�H 以上
試料前処理装置（外付けオプション） 
　フロープϨップ060（加ガスフロー方式）
　バキュプϨップ061（加真空ഉ気方式ʗ加ガスフロー方式） 

ガスٵண法によるൺද໘積ʗࡉ測定

ただし、このままでは୯分子層ٵ着量、つまり試料表面の一層
だけのガス分子の量を正確にಡみऔることはできません。一層
のٵ着から、多層ٵ着にҠ行する過ఔのใに対して、「BE5
の式」をద用することにより、正確に୯分子層ٵ着量を計算する
ことができます。実ࡍの測定には、ガス分子一ݸの占める試料
表面積がわかっているガスを用います。ͦ して、୯分子層ٵ着
量にガス分子一ݸの占めるஅ面積をかければ、試料の表面積
をٻめることができます。

● ガスࢠのٵணとѹྗのมԽ

● ガスࢠのॖڽとࡉ
さらに試料表面にガス分子がԿ層もٵ着していくうちに、細
孔、つまり試料表面に存在する微細な݀の中にガス分子が
。しますॖڽ
このとき、大量のガス分子が気体から液体にมԽするので、
細孔内でॖڽがおこったかどうかは、ガス分子のٵ着量の
৳びを視していればわかります。
こったときの圧力は、細孔の大きさと૬関があるىがॖڽ
ことがられています。また、ٵ着量の৳びは細孔の内容積
に比ྫしていますので、上のグラフから細孔の容積の分、
つまり細孔分をٻめることができます。

● サϒφϊྖҬのٵணڍ動
サブφノྖҬ（1nN以下）の細孔では、ॖڽ現象がىこりません。したがってٵ着量のܹٸなมԽを、細孔内のガス分子のॖڽ
と考えることができません。このためサブφノྖҬでは、ॖڽとはશく異なるٵ着メΧχズムに基づく解ੳ方法がద用されます。
よく使用されるのが),法、S'法、C:法などฏۉポテンシャルに基づく方法、層状ٵ着を֦張して考えるMP法、異なるガス分子を
。着させる分子プローブ法などですٵ

ணͤ͞ɺͦٵΛࢠண༗໘ੵͷΘ͔ͬͨΨεٵʹྉ（測定ର）ͷද໘ࢼ ͷྔ͔Βࢼྉͷൺද໘ੵΛٻΊͨΓɺ
Ψεࢠͷ͔ॖڽΒࡉΛ測定͢Δํ๏Ͱ͢ɻ

試料をྫྷ٫した後、窒素ガスのように試料とԠをىこしにく
いガスをਧきࠐΉと、試料表面にガス分子がٵ着します。

1

表面શ体がガス分子で෴われた後は、ガス分子の上にガス分子がॏなって多層ٵ着します。この様子は、グラフにࣔすように、圧力
のมԽに対するٵ着量のมԽとして表現できます。

ਧきࠐΉガスの量を増やすと、試料表面はガス分子で෴われ
ていきます。

2

3
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定容積膨張法による密度測定

● 密度とは
ひとくちに密度といっても、「真密度」「粒子密度」「Envelope密度」など、定義の

異なる複数の密度が存在します。

真密度とは、物質自身が占める体積だけを密度算定用の体積とする密度のこと

です。（（a）参照）

粒子密度とは、外部とつながっていない粒子内部の空間（閉細孔）を含めた場合

の密度のことであり（（b）参照）、以下の2種類の体積が含まれています。

(1) 粒子の物質自身の体積

(2) 粒子内の閉細孔の体積

Envelope密度とは、粒子表面の外周を体積とした場合の密度のことであり（（C）

参照）、以下の3種類の体積が含まれています。

(1) 粒子の物質自身の体積

(2) 粒子内の閉細孔の体積

(3) 粒子内の開細孔の体積

　 （外部とつながっている粒子内部の空間）

このように種々の密度の定義がありますが、厳密にいえば、アキュピックⅡ1340シリー

ズで測定できるのは、「粒子密度」です。ただし、粒子内部に外部とつながっていない

空間（閉細孔）が無視できる場合には、測定結果を「真密度」と考えることができます。

なお、密度の定義は、測定手法、測定対象の大きさ、形状、用途、さらに業界、分

野等によっても微妙に異なる場合がありますので、上記の定義が絶対的なもの

ではありません。ご注意ください。

● 原理
本装置は、定容積膨張法を使用しています。この方法では一定体積

VCELLの試料室中に体積VSAMPの試料を装填し、定圧力P1（ゲージ圧）

にした後、バルブを開け、別の一定体積VEXPの膨張室と試料室をつなぎ

ます｡この時、系の中の気体は膨張し、圧力はP2になります。ボイル・シャ

ルルの法則から、次のような圧力と体積の関係式が得られます。

したがって、試料室の体積VCELLと膨張室の体積VEXPが予め分

かっていれば、膨張前後の気体圧力P1とP2を測定すれば、試料の体積が計算できます。

乾式密度測定装置
ヘリウムガスを用いて液体を含む多様な対象の密度を正確に測定

1345シリーズ
乾式自動密度計
アキュピックⅡ

マイクロメリティックス社製

● 固体だけでなく、粉体、ペースト状の試料、さらに液
体の密度も含めて、ほとんどすべての対象の密度を
高感度かつ正確に測定できます。

● 気体（ヘリウムガスや窒素ガス）を用いるので、試料
の液体に対する溶解特性や濡れ特性、気泡の付着
性などの問題を一切考慮する必要がありません。ま
た、液体分子が侵入できないような微細孔にも気体
分子であれば侵入できるので、きわめて正確な密
度測定が実現できます。

● 測定後の試料の回収や、同一試料の繰り返し測定
が容易に行えます。

● 測定モジュールを最大5台まで本体に増設できま
す。これによって最大6試料までの同時測定が可能
になります。試料点数が多い場合には、最大試料容
量が同じ測定モジュールを複数台増設して処理能
力の向上を図れます。また、試料サイズが大きく異
なる場合には、最大試料容量の異なる測定モジュー
ルを増設すれば、試料のサイズに関わらずに同じ測
定精度を得ることができます。

● PCとLAN接続すると、WEBブラウザだけで、過去5
回の測定結果を確認・保存・印刷することができま
す。さらに、オプションソフトウェアを追 加 すると
PCからアキュピック本体を制御できるようになり
ます。

● 天びんを本体のシリアルポートに接続することによ
り、試料質量を直接入力することができます。

● 温度調整モデルは循環恒温槽（オプション）を接続
することによって設定温度での密度測定が可能に
なります。

● 正確な密度測定結果に基づいて、
 　　＊ 懸濁液の濃度の評価
 　　＊ 微粒子のコーティング層の厚みの評価
 　　＊ 気泡率の評価

など、様々なアプリケーションの可能性が広がります。
● 測定法 ： 定容積膨張法
 「気体ピクノメータ法」という名称で日本薬局方に一般

試験法として収載されています。

＊ 測定セル容量に比べ試料量が極端に少ない場合、マルチ
ボリウムキット（オプション）を用いて、測定セル容量を制限
し、測定精度を向上させることができます。

＊ 粉末試料の測定には、オプションのフィルターキャップキッ
トまたはマルチボリウムキットをご使用ください。（1ccモデ
ルの場合は、フィルターキャップキットの場合のみ粉末試
料の測定が可能となります。）

注）

標準モデル

100cc
10cc
1cc

温度調節モデル

100cc
10cc

－

増設用
測定モジュール

－
10cc

－

本体および増設用測定モジュールの一覧

試料点数が多い場合のシステム構成例

測定
モジュール

10cc

測定
モジュール

10cc

測定
モジュール

10cc

測定
モジュール

10cc

測定
モジュール

10cc

本体

10cc

試料サイズが大きく異なる場合のシステム構成例

仕事のスタイルに合わせて増設スタイルを選択可能

測定
モジュール

10cc

本体

100cc

増設用測定モジュール
本体（コントローラ＋測定モジュール）

26 27



定容積膨張法による密度測定

● 密度とは
ひとくちに密度といっても、「真密度」「粒子密度」「Envelope密度」など、定義の

異なる複数の密度が存在します。

真密度とは、物質自身が占める体積だけを密度算定用の体積とする密度のこと

です。（（a）参照）

粒子密度とは、外部とつながっていない粒子内部の空間（閉細孔）を含めた場合

の密度のことであり（（b）参照）、以下の2種類の体積が含まれています。

(1) 粒子の物質自身の体積

(2) 粒子内の閉細孔の体積

Envelope密度とは、粒子表面の外周を体積とした場合の密度のことであり（（C）

参照）、以下の3種類の体積が含まれています。

(1) 粒子の物質自身の体積

(2) 粒子内の閉細孔の体積

(3) 粒子内の開細孔の体積

　 （外部とつながっている粒子内部の空間）

このように種々の密度の定義がありますが、厳密にいえば、アキュピックⅡ1340シリー

ズで測定できるのは、「粒子密度」です。ただし、粒子内部に外部とつながっていない

空間（閉細孔）が無視できる場合には、測定結果を「真密度」と考えることができます。

なお、密度の定義は、測定手法、測定対象の大きさ、形状、用途、さらに業界、分

野等によっても微妙に異なる場合がありますので、上記の定義が絶対的なもの

ではありません。ご注意ください。

● 原理
本装置は、定容積膨張法を使用しています。この方法では一定体積

VCELLの試料室中に体積VSAMPの試料を装填し、定圧力P1（ゲージ圧）

にした後、バルブを開け、別の一定体積VEXPの膨張室と試料室をつなぎ

ます｡この時、系の中の気体は膨張し、圧力はP2になります。ボイル・シャ

ルルの法則から、次のような圧力と体積の関係式が得られます。

したがって、試料室の体積VCELLと膨張室の体積VEXPが予め分

かっていれば、膨張前後の気体圧力P1とP2を測定すれば、試料の体積が計算できます。

乾式密度測定装置
ヘリウムガスを用いて液体を含む多様な対象の密度を正確に測定

1345シリーズ
乾式自動密度計
アキュピックⅡ

マイクロメリティックス社製

● 固体だけでなく、粉体、ペースト状の試料、さらに液
体の密度も含めて、ほとんどすべての対象の密度を
高感度かつ正確に測定できます。

● 気体（ヘリウムガスや窒素ガス）を用いるので、試料
の液体に対する溶解特性や濡れ特性、気泡の付着
性などの問題を一切考慮する必要がありません。ま
た、液体分子が侵入できないような微細孔にも気体
分子であれば侵入できるので、きわめて正確な密
度測定が実現できます。

● 測定後の試料の回収や、同一試料の繰り返し測定
が容易に行えます。

● 測定モジュールを最大5台まで本体に増設できま
す。これによって最大6試料までの同時測定が可能
になります。試料点数が多い場合には、最大試料容
量が同じ測定モジュールを複数台増設して処理能
力の向上を図れます。また、試料サイズが大きく異
なる場合には、最大試料容量の異なる測定モジュー
ルを増設すれば、試料のサイズに関わらずに同じ測
定精度を得ることができます。

● PCとLAN接続すると、WEBブラウザだけで、過去5
回の測定結果を確認・保存・印刷することができま
す。さらに、オプションソフトウェアを追 加 すると
PCからアキュピック本体を制御できるようになり
ます。

● 天びんを本体のシリアルポートに接続することによ
り、試料質量を直接入力することができます。

● 温度調整モデルは循環恒温槽（オプション）を接続
することによって設定温度での密度測定が可能に
なります。

● 正確な密度測定結果に基づいて、
 　　＊ 懸濁液の濃度の評価
 　　＊ 微粒子のコーティング層の厚みの評価
 　　＊ 気泡率の評価

など、様々なアプリケーションの可能性が広がります。
● 測定法 ： 定容積膨張法
 「気体ピクノメータ法」という名称で日本薬局方に一般

試験法として収載されています。

＊ 測定セル容量に比べ試料量が極端に少ない場合、マルチ
ボリウムキット（オプション）を用いて、測定セル容量を制限
し、測定精度を向上させることができます。

＊ 粉末試料の測定には、オプションのフィルターキャップキッ
トまたはマルチボリウムキットをご使用ください。（1ccモデ
ルの場合は、フィルターキャップキットの場合のみ粉末試
料の測定が可能となります。）

注）

標準モデル

100cc
10cc
1cc

温度調節モデル

100cc
10cc

－

増設用
測定モジュール

－
10cc

－

本体および増設用測定モジュールの一覧

試料点数が多い場合のシステム構成例

測定
モジュール

10cc

測定
モジュール

10cc

測定
モジュール

10cc

測定
モジュール

10cc

測定
モジュール

10cc

本体

10cc

試料サイズが大きく異なる場合のシステム構成例

仕事のスタイルに合わせて増設スタイルを選択可能

測定
モジュール

10cc

本体

100cc

増設用測定モジュール
本体（コントローラ＋測定モジュール）
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定温試験、等ঢ温試験

● ෯広い圧力ൣғ
● ঢ温試験が可能
● 正確なྲྀಈ測定と࠶現性のよいデータ
● ෯広い試験温度ൣғ

MCT™シリーズ
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形　　　式
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試験力ൣғ（NN）
試験力分解能
測定ൣғ（�N）
測定最খ୯Ґ（�N）
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MC5�510 MC5�511 MC5�210 MC5�211
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● 微খな圧ॖมҐ測定
● ϫイυな試験力Ϩンジ
● 高精度・高҆定性測定
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● 圧ॖ中試料のม形状ଶ؍が可能（オプション）
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